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BASIC-ABSTRACT: 

Presensitised lithographic printing plate comprises a substrate and a 
photooopyingcompsn. contg a hi^ mol cpd or copolymer contg. unit(s) of 
formula CD, which is soluble In and hence removed by aq. alkaline sob. in the 
exposed areas and accepts printing ink in the remaining unexposed areas: X « 
opt substd alkylenc, .CH2CH20-CO-CH=CH.CO-OCH2CH2- , 
-CH2CH20-CO-Phe-CO.OCH2CH2-, -CH2CH2-NH-CO-OCH2Cm- or 
-CH2CH2.NH-CO-NH-CH2CH2-; Rl = H. halogen or alkyi; R2, R3 = H, halogen, an 
opt. substd. alkyl or aromatic gp. , -0R4, -C0-0R5, -C0NHR6, -C0R7 or -CN; or R2 
+ R3 = a ring, R4, R5. Rtf, R7 « an alkyl or aromatic gp.; n - 2 or 3; and Phe = 
phenylene. 

ADVANTAGE - Hie plate can be developed at relatively low pH and gives an 
excellent positive image with little change due to variation in the development 

ccnditions. The copying and printing properties are excellenL 
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@ Lichtempfindliche lithograph ische Druckplatte und lichtempfindliche Zusammensetzung 

@ Die Erfindung betrifft eine lichtempfindnche lithographi- 
sche Druckplatte mit einem Trager, auf den eine lichtemp- 
findliche Zusammensetzung aufgebracht ist die eine hoch- 
molekulare Verfoindung mit emer Partialstrufctur der nachste- 
hend angegebenen Formal (I) enthSIt bei der ein belichteter 
Abschnitt der lichtempfindllchen Zusammensetzung in elner 
wdHrlgen Afkalilosung geldst und damit entfemt wird und 
ein zuruckbletbender unbelichteter Abschnitt der lichtemp- 
findlichen Zusammensetzung ein Druckfart>e aufhehmender 
Abschnitt ist. 
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Beschrdbung 

Die Erfindung betrifft ine lichtempfindlidie lith graphische Dniclq>latte vom p sitiven TVp und eine licfat- 
mpfindliche Ztisammensetzung. 

5 Eine lichtempfindliche Zusamin nsetzimg, die erne o-Ni9hthochmondiazid-Veii>mdimg und in Novolakphe- 
nolharz enthSlt, wird industriell verwendet als ausgezeiclinete lichtempHndliche Zusammensetzung bei der 
Herstellung einer lithographischen Druckplatte oder eines Photoresistmaterials. 

Eine lichtempfindliche Zusammensetzung, in der ein konvend n lies Phenolharz verw ndet wird, muB jedoch 
normalerweise mit einer wfiBrigen alkalischen Ldsung mit einem hohen pH-Wert von 13 oder mehr entwickelt 

10 werden. Ein solcher Entwickler mit einem hohen pH>Wert ist vom Standpunkt der Sicherheit bei der Handha- 
bung und bei der Beseitigung des verbrauchten Entwicklers aus betrachtet, keineswegs erw(inscht Um die 
Mangel der konvendonellen Phenolharze zu beseitigen, ist in )P-B-1>53451 (der hier verwendete Ausdruck 
"JP-B" steht f Or eine 'geprOfte japanische Patentpublikation") die Verwendung einer hocfamolekularen Verbin- 
dung, die durch Polymerisation von Monomeren von Acryls&urederivaten erhalten wird, als Bindemittel be- 

15 schrieben. In JP-A-3-68946 (der hier verwendete Ausdruck TP-A" steht to eine 'WgeprQfte publizierte japani- 
sche Patentanmeldung^ ist die Verwendung einer hochmotekularen Verbindung; die durch Polymerisadon von 
Monomeren von N-Phenylacrylamidderivaten, die eine Carbons&uregruppe aufweisen, erhalten wird, als Binde- 
mittel in einer iichtempfindlichen lithographischen Druckplatte, die keine Anfeuchtungsldsung bendtigt, be- 
schrieben. 

20 In IP-A-50-55406 ist die Verwendung einer hochmolekularen Verbindung, die durch Polymerisation von 
Monomeren yon Acrylamidderivaten, die eine phenolische Hydroxylgruppe enthalten, erhalten wird, als Binde- 
mittel beschriebea In JP-A-51-36129 ist die Verwendung einer hochmolekularen Verbindungi die durdi Polyme- 
risation von Monomeren von (HydroxyphenyI)acrylat-Derivaten erhalten wird, als Bindemittel beschrieben. In 
dem westdeutschen Patent 35 28 390 ist die Verwendung einer hodunolekularen Verbindung; die durch Polyme- 

25 risation von Monomeren von Polyhydroxyphenylacrylat-Derivaten eriialten wird, als Bindemittel besdirieben. 
In dem westdeutschen Patent 3528 929 ist eine hodmiolekulare Verbmdung beschrieben, die erhalten wild 
durch Polymerisation von Monomeren von Aorylderivateiv die eine Monohydroxyphenylgruppe und eine ver- 
bindende Alkylengruppe enthahen. 
Diese Bindemittel kdnnen mit einer wiBrigen LOsung mit einem pH-Wert von 12,5 oder weniger entwickelt 

30 werdea Diese Verfahren sind jedoch nachteilig insofen^ als beim Entwtckehi das positive Bild voUstHndig 
aufgeldst wird oder ein sehr wetdies Bild gebildet wird Diese Verfahren sind auch nachteilig insofem, als die 
lichtempfindliche Zusammensetzung eine grofie Ver&ndenmg der Bilderzeugiingseigenscfaaften aufweist selbst 
bei nur geringer Anderung der Entwicklungsbedingungen. 
In dem US-Patent 4 724 195 ist auBerdem die Verwendung einer hochmolekularen Verbindung, die erhalten 

35 wird durch Copolymerisation von Monomeren von Acrylderivaten, die eine phenolische Hydros^Igruppe ent- 
halten, und Monomeren, die ein Fluoratom enthalten, als Bindemittel in einer lithographischen Druckplatte, (Ue 
keine Befeuchtungsldsung erfordert, beschriebea 

Diese Verfahren sind jedoch nachteilig insofem, als die Druckfarfoenhaftungseigenschaften (nachstehend als 
"( An)Farbungseigenschaften* bezeichnet) der Absdmitte, in denen die Bildteile, d. h. die Iichtempfindlichen 

40 Schichten, verbleiben, beim Drucken schlechter sind, obgleich das BIndemittd die Entwicklung ndt einer wAfiri- 
gen Losung rait einem pH-Wert von 12,5 oder weniger ermOglicht 

AuBerdem ist in JP-A-63-226641 und in der japani^en Patentanmeldung Nr. 5-170484 die Verwendung einer 
hochmolekularen Verbindung, die erhalten wird durch Polymerisation von Monomeren von N-Sulfo- 
ny](meth)acrylamidderivaten oder Sulfonlmidderivaten, als Bindemittel beschrieben. In den japanischen Patent- 

45 anmeldungen Nr. 5-183022 tmd 5-183023 smd Bindemittel beschrieben, die durch Polymerisation von Monome- 
ren von N-Phenylacrylamidderivaten, die eine Carboxylgruppe in der ortho-Position aufweisen, erhalten wer- 
den. Diese Bindemittel konnen mit einer wafirigen Ldsung mit einem pH-Wert von 12,5 oder weniger entwickelt 
werden, die erhaltene lichtempfindliche Zusammensetzung weist eine geringe Ver&nderung der Bilderzeugungs- 
eigenschaften bei Anderung der Entwicklungsbedingungen auf und es kdnnen positive Bilder mit ausgezeichne- 

50 ten Anf ^bungseigenschaften erhalten werden. Diese Verfahren sind jedoch insofem nachteilig; als die Diff erenz 
der optischen Dichten zwischen den belichteten Abschnitten und den unbelichteten Abschnitten (nachstehend 
als "Auskopierung" bezeichnet) gering ist und insofem, als dann, wenn eine Wftrmebehandlung nach der Ent- 
wicklung durchgefahrt wud (nachstehend als "Einbrenn-Behandlung* bezeichnet) die Druckeigenschaften 
(Druck-Lebensdauer) unzureichend sind. 

55 Ein Ziel der vorliegenden Erfindung ist es, eine lichtempfindliche lithographisdie Druclq>latte bereitzustellen, 
die mit einer wSBrigen alkalischen Ldsung mit einem verhaitnismiBig niedrigen pH-Wert entwidcelt werden 
kann, ein ausgezeichnetes positives Bild mit einer geringen Anderung der Bilderzeugungseigenschaften in 
Abh§ngigkeit von der Anderung der Entwicklungsbedingungen ergibt, ausgezeichnete Auskopiereigenschaften 
und ausgezeichnete Druckeigenschaften (Druck-Lebensdauer) nach dsr Einbrennbehandlung aufweist 

60 Ein weiteres Ziel der Erfindung besteht darin, eme lichtempfindliche Zusammensetzung zur VerfOguog zu 
stellen, aus der die vorstehend beschriebene liditempfindlidie lithograplusche Druckplatte hergestellt werden 
kann. 

Diese und weitere Ziele der vorli^enden Erfindung kdnnen errdcht werden diudi 

fi5 1) eine lichtempfindliche lithographische Druckplatte, die umfaBt einen TVdger, auf den eine lichtempfindU- 
che Zusammensetzung aufgebradit ist, die eine hochmolekulare Verbindung (Polymer) mit mer Partial- 
struktur der nachstehend angegebenen Formel (I) enth&lt, wobei in belichteter Abschnitt der Iichtempfind- 
lichen Zusanmiensetzung mit emer wSBrigen Aikalildsung aufgeldst und entfemt wird und em zurQdd>lei- 
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bender unbelichteter Abschiutt aus der licfatempfindlichen Zusammens tzung ein Dnickfarben-aufhehmen- 
derAbschnitt isU 


(I) 

to 


wmin bedeuten: 

XdneAlkylengruppe,einesubstituierteA]l^engnippe^ is 
-CH2CH2OCH2CH2- 

-CH2CH20-C-CH=CH-C-OCH2CH2- 
0 O 



-CH2CH20-C-tWf-C-OCH2CH2- 
0 0 


H 

•CH2CH2-N- C-OCH2CH2- 
0 


Oder 

40 

H H 
-CH2CH2-N-C-N- CH2CH2- 

O 45 

Ri ein Wasserstoffatom* ein Halogenatom oder eine Aikylgruppe; 

R2 und R3 jeweils unabh&ngig voneinander ein Wasserstoffatonit em Halogenatom, eine Ali^lgruppe, eine 
substituierte Aikylgruppe, eine aromatische Gnippe, eine substituierte aromadsdie Gruppe, — OFU* — CO- 
OR5, — CONHRfi, — COR7 Oder — CN, worin R4, Rs, Rs und R7 jeweils unabhfingig voneinander stehen fdr 50 
eine Aikylgruppe oder eine aromatische Gruppe oder Ra und R3 miteinander kombiniert sem kdnnen unter 
Btldung eines Ringes; und 
ndieZahl2oder3» 

Aufierdem werden diese und weitere Ziele der voriiegenden Erfindung erreidit durch 55 

2) eine lichtempfindliche Zusammensetzung, die eine hochmolekulare Verbindung (Polymer) mit elner 
wiederkehrenden Einheit, dargestellt durch die folgende Formel (P), enthMlt; oder durch 

3) eine lichtempfindliche Zusammensetzun^ die ein Copolymer mit einer Partialstruktur, dargestellt durch 

die vorstehend angegebene Formel OX und mindestens dner Partialstniktur, ausgew&hit aus den folgenden 60 
Formein (II), (IIIX (1^0 ^ 00> als hochmolekulare Verbindung (Polymer) enthfllt: 
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(9H)n 


0 R3 

worm X. Ri bis R3 (einschlieBlich R4 bis R7) und n die gleichen Bedeutungen haben. wie sie oben fOr die 
Formel (I) jeweils angegeben worden sind> und p fOr eine ganze Zahl von 1 oder mehr steht; 

-iCHz-C)- (II) 


worm bedeuten: 

Rs ein Wasserstoffatom, ein Halogenatom oder eine Alkylgnippe (vorzugsweise eine solche mit 1 bis 4 
Kohlenstoffatomen); 

A eine Phenyleognippe oder eme substituierte Phehyiengruppe; 
B —CO— oder^— ; 

E — CO— Ra oder — SO2— Ro^ worin R9 fOr eine Alkylgruppe, eine substituierte Alkylgrupp^ eine aromati- 
sche Gruppe oder eine substituierte aromatische Gruppe steht; und 

m und n jeweils unabhflngig voneinander die Zahl 0 oder 1, mit der MaBgabe* daB A>«ti, wenn dner der 
Indices m und n 0 bedeutet, der andere nicht 0 ist; 


cpeH^Rii 

(III) 


worin bedeuten: 

Rio ein Wasserstoffatom, ein Halogenatom oder eine Alkylgruppe; 
Y ein Sauerstoffatom, — hW— oder — N(Ri5) — , worin R15 fOr eine Alkylgruppe steht; 
Riit R12, Ri3 und Ri4 jeweils unabhSngig voneinander ein Wasserstoffatom, ein Halogenatom, eine Alkyl- 
gruppe, cine substituierte Alk^gruppe, eine Arylgruppe, eine substituierte Aryl^pp^ — ORifr — OCO— 
Ri7, -NHCO-R18. -NHCONHR19, -OCONH-Rao, -OOOR21, -CONHRaa, -CORas, -OONR24R2a. 
-CN Oder -CHO, worin Ri6» Rir* Ri& Ri9» Rao* R2i» R22» RiSf R24» und R33 jeweils unabhSngig voneinander 
fGr eine Alkylgruppe, eine substituierte Alkyl^ppe, eine Arylgruppe oder eine substituierte Arylgruf^e 
stehen oder worin zwei der Reste Ru, Ri^ R13 und R14 miteinander kombiniert sein kdnnen unter Bildung 
ernes Ringes, mit der MaBgabe, daB mindestens einer der Reste Ru, R12, Rts und Ri^ eme andere Gruppe als 
ein Wasserstoffatom ist; 



R26 

I (IV) 

C-Z-R27 


worin bedeuten: 

R26 ein Wasserstoffatom, ein Halogenatom oder eine Alk^gruppe; 

R27 ein Wasserstoffatom, eine Ali^fgruppe, eine substituierte AU^lgruppe, eine aromatische Gruppe» eine 
substituierte aromatische Gruppe oder eine AraOcylgntppe; und 
Z inSau rstoffatomoder — NH— ; 
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^28 

RZ9 * 

w rinbedeuten: 

R2B ein Wasserstoffatom, ein Halogenatom oder eine Alkylgruppe; und 

R29 eine aromatische Gnippe, — CN oder — CHO. 10 

In der Fonnel (I) bedeutet Ri vorzugsweise ein Wasserstoffatoni, ein Oiioratom oder eine Alkylgruppe mit 1 
bis 4 Kohlenstoffatomen und besonders bevorzugt ein Wasserstoffatom oder eine Methylgruppe. 

X bedeutet vorzugsweise eine substitulerte oder unsubstituierte Alkylengnippe mit 1 bis 20 Kohlenstoffato- 
men und besonders bevorzugt eine Alkylengnippe mit 2 bis 6 Kohlenstoffatomen. 15 

Zu bevorzugten Beispielen fOr die Substituenten der substituiertoi Alkylengruppe^ (tie durcli X dargestellt 
wirxi gehdren eine Hydroxylgruppe, eine Alkylgruppe mit 1 bis 10 Kohlenstoffatomen, eine Alkoxygruppe mit 1 
bis 10 Kohlenstoffatomen cxier eine Acyloxygruppe mit 1 bis 10 Kohlenstoffatomea 

und R3 bedeuten jeweiis vorzugsweise ein Wasserstoffatom, ein Chk)ratom» erne Alkylgruppe mit 1 bis 4 
Kohlenstoffatomen. eine Rienyigruppe, — OR4, —COORs, -CONHR^, -OOR7 oder -CN; und R4, Rs, Rfi und 20 
R7 bedeuten vorzugsweise jeweiis eine Alkylgruppe mit 1 bis 4 Kohlenstoffatomen oder eine Phenylgruppe; R2 
und R3 bedeuten besonders bevorzugt jeweiis ein Wassersto&tom, ein Chloratom, eine Methj^gruppe oder eine 
Methoxygruppe. 

In der Pormel (II) bedeutet Rs vorzugsweise ein Wasserstoffatom oder eine Methylgruppe. 

A bedeutet vorzugsweise eine Phenylengruppe oder ist nicht vorhanden (d. b. m — 0). 25 

Zu bevorzugten Beispielen fOr die durch Ra dargestellte Alk^gruppe gehdren eine geradkettige» verzweigte 
oder pyclische Alkylgruppe mit 1 bis 20 Kohlenstoffatomen, wie Methyl, Eth^ Isopropyl und Q^lohexyL Zu 
bevorzugten Beispielen fOr die durch R9 dargestellte substitulerte Alk^gruppe geh6ren die obengenannten 
Alkylgruppen, die substituiert sind durch einen Subsdtuenten» beispielsweise ein Halogenatom (wie Chlor, 
BromX eine Arylgruppe (wie Phen^), eine Amidogruppe (wie Acetamido), eine Alkoxygruppe (wie Methoxy, 30 
Butoxy) und eine Alkoxycarbonylgruppe (wie Ethoxycarbonyl). Zu bevorzugten Beispielen fOr die durch Ra 
dargestellte aromatische Gruppe gehdren eine Aiylgruppe (eine carbocyclische aromatische GruppeX wie 
Phenyl, Naphthyl und Anthranyl und dne heterocyclisdie aromatische Gruppe^ wie BenzofuryL Zu bevorzugten 
Beispielen fOr die Substituenten der durch R9 dargesteUten substituierten aromatischen Gruppe gehdren em 
Halogenatom (z. B. Chlor, BromX eine Alkylgruppe mit 1 bis 10 Kohlenstoffatomen (z. E Methyl Ethyl Butyl), 35 
erne Alkoxygruppe mit 1 bis 10 ECohlenstoffatomen (z. B. Methoxy, Butoxy), eine Amidogruppe (z. B. Acetamido) 
und eine Arylgruppe (z. B. Phenyl). 

In der Formel (III) gehdren zu bevorzugten Beispielen fOr das durch Rio dargestellte Halogenatom em 
Chioratom oder ein Bromatom. 

Zu bevorzugten Beispielen fOr die durch Rio dargestellte Alkylgruppe gehdren eine Alkylgruppe mit i bis 6 40 
Kohlenstoffatomen, besonders bevorzugt mit 1 bis 4 Kohlenstoffatomea 

In bezug auf Rn, Ri2» Ri3 und Ru ist die Alk^gruppe vorzugsweise eine Alk^gruppe mit 1 bis 20, besonders 
bevorzugt mit 1 bis 8 Kohlenstoffatomen. Die aromatische Gruppe ist vorzugsweise eine aromatische Gruppe 
mit 6 bis 20, besonders bevorzugt 6 bis 10 Kohlenstoffatomen, wie Phenyl und NaphthyL Zu Beispielen fOr die 
Substituenten der substituierten Alk^- und Arylgruppen gehdren eine aromatische Gruppe, eine Alkoxygru];^e 45 
mit 1 bis 10 Kohlenstoffatomen, ein Halogenatom, eine Alkoxycarbonylgruppe, erne Acyloxygruppe, erne 
Formylgruppe und erne Arylo^^gruppe. Au&erdem gehdren zu Bdspielen fOr die Substituenten der substituier- 
ten aromatischen Gruppe zusdtzlich zu den obengenannten Substituenten eine Alkjdgruppe mit 1 bis 10 
Kohlenstoffatomen. 

Zwei der Reste Ri 1, Ri2> R13 und Ru kdnnen jeweiis miteinander kombiniert sein unter Bildtmg eines Ringes. 50 
Der durch zwei der Reste Rn bis R14 gebildete Ring ist vorzugsweise ein 5- bis 7gliedriger Ring und zu 
Beispielen dafur gehdren ein aliphatischer Ring mit 4 bis 14 Kohlenstoffatomen, z. K Qyclopentan und C^ohe- 
xan; ein aromatischer Ring mit 4 bis 14 Kohlenstoffatomen, z. B. Benzol und N^hthalm; und ein hetero^^- 
scher Ring mit 1 bis 4 Heteroatomen^ z. B. Pyridin, Furan, Pyrrol und IndoL 

Ris bedeutet vorzugsweise eine Alkylgruppe 1 bis 6 Kohlenstoffatomen und besonders bevorzugt eine S5 
Alkylgruppe mit 1 bis 4 Kohlenstoffatomen. 

R16 bis R25 bedeuten jewdls eine Alk^gruppe, eine substituierte Alkylgruppe, eine Arylgruppe oder erne 
substitulerte Arylgruppe. Die Alkylgruppe enthftit vorzugsweise 1 bis 20, braonders bevorzugt 1 bis 8 Kohlen- 
stoffatome. Die Arylgrappe enth&lt vorzugsweise 6 bis 20, besonders bevorzugt 6 bis 10 Kohlenstoffatome, z. B. 
Phenyl und NaphthyL Zu Beispielen fOr die Substituenten der substituierten AII^ und Arylgruppen gehdren 60 
eine Arylgruppe mit 6 bis 10 Kohlenstoffatomen, eine Alkoxygruppe mit 1 bis 10 Kohlenstoffatomei^ em 
Halogenatom, eine Alkoxycarbonylgruppe mit 2 bis 10 Kohlenstoffatomen^ erne Acyloxygruppe mit 1 bis 10 
Kohlenstoffatomen und eine Form^gruppe. AuBerdem gehdren zu Beispielen fOr die Substituenten der substi- 
tuierten aromatischen Gruppe eine Alkylgruppe mit 1 bb 10 Kohlenstoffatomen zusatzlidi zu den obengenann- 
ten Substituenten. 6S 

In der Forme! (Ill) bedeutet Rio vorzugsweise ein Wasserstoffat m oder em Methylgruppe. Y bedeutet 
V rzugsweis — NH— ; Ru bis Ri4 bedeutet vorzugsweise jeweiis &n Halogenatom, ine AU^lgruppe mit 1 bis 8 
Kohlenstoffotomen, eine Alkylgruppe mit insgesamt 1 bis 15 Kohlenstoffatomen, substituiert durdi em Halogen- 
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atom, eine Arylgnippe oder ine Alkoxygruppe, — ORi^ -OOORir. — OOONHRm, worm R|& Ru und R» 
vorzugsweise jeweils stehen fOr ine Alkylgruppe mit 1 bis 8 Kohlenstoffatomen, dne Ar^gruppe, eine subsdtu- 
ierte Alkylgruppe mit insgesamt 1 bis 15 Kohlenstoffatomen* substituiert durch dn Hak>g natoiQ. dne Ar^gnip- 
pe Oder eine Alkoxygruppe, oder eine substitmerte Arylgrupp mit insgesamt 6 bis 15 Kohlenstoffatomen, 
5 substituiert durdi ein Halogenatom, eine Alkylgruppe oder eine Alkoxygruppe. Aufierdem ist es audi bevorzugt, 
daB zwei der Reste Ru bis Ru miteinander kombiniert sind unt r Bildtmg eines Ringes und zu b vorzugten 
Beispielen fOr den Ring gehdren Naphthaiin, Tetralin, Inden, Indanon, Tetral n, Benzofuran und Indol, aufge- 
zflhlt in Form eines Ringes, der mit einer Arylgruppe k ndensiert ist, die durch eine Carboxylgruppe substituiert 
ist 

10 In der Formal (TV) bedeutet R26 vorzugsweise ein Wasserstoffatom oder eine Methylgruppe. 

Ra7 bedeutet vorzugsweise ein Wasserstoffatom. cine geradkettige, verzweigte oder cyclisdie substituierte 
Oder unsubstituierte Alkylgruppe mit 1 bis 15 Kohlenstoffatomen, eine substituierte oder unsubstituierte aroma- 
tische Gruppe mit 6 bis 15 Kohlenstoffatomen, oder eine Aralkylgruppe mit 7 bis 12 Kohlenstoffatomen. Zu 
Beispielen fQr die Substituenten der substituierten Alkyl- und aromatischen Gruppen gehdren eine Hydroxyl- 
15 gnippe, eine Alkoxygruppe (vorzugsweise eine Alkoxygruppe mit 1 bis 4 KohlenstoffotomenX eine Phenoxy- 
gruppe, ein Chloratom, — CN, — SO2NH2 und eine Epoi^gruppe. 

In der Forme! (V) bedeutet R^s vorzugsweise ein Wasserstoffatom oder eine Methylgruppe. R29 bedeutet 
vorzugsweise eine Phenylgruppe oder — CN. 

Die erfindungsgemifie lichtempfindlidie Zusammensetzimg enth&lt vorzugsweise ein Copolymer mit einer 
20 Partialstruktur, dargestellt durdi die Formd (I), mit einer Partialstniktur, dargestellt durdi die Formel (II) und 
mindestens einer Partialstruktur, ausgewahlt aus den Formehi (flTj, (IV) und (V), als eine hodunolekulare 
Verbindimg. 

Spezifische Beispiele fOr das Monomer, das eine Partialstruktur, dargestdlt durdi die Formehi (I) bis (V), 
gemaB der vorliegenden Erfindung ergibt, werden nachstehend aufgezfihlt, die voiiiegende Erfindung ist darauf 
25 jedoch nicht beschrSnkt 

(Spezifische Beispiele f Or das Monomer, das eine Partialstruktur der Formd 0) ergibt) 
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5. 

CH2=:CH ^S— \ 

C-0-fCH276-0-CH:Q:^OH 


^' che=ch oh ^^V-\ 

C-O-CHz-CH-CHzO-^-^^OH 


7. 9^3 

1 HO 
CH2=C ^ ^ — . 

G - O - GHz GHeN - C - OCH2CH2O - C -^^-OH 
0 0 0 

(Spezifische Beispiele f fir das Monomer, das eine Pardahtruktur der Formel (II) ergibt) 


8. 
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CH2=CH-C-N-S02 CH3 


9, 


CH2=C-C-N-SOz-\^_^CH3 


10. 


0 

CH3 


CH3 


11. 


12. 


CH2=C-C-N-S02-<(Q> 
0 

CH2=CHH;^>-S02-N-CH;^)-Me 

O 

GHz = CH-<^^ SO 2- N - C -iCRzf^CKz 


13. 


CH2=CH-(^)-SO2-N-S02 "SV^^ CH3 

CH3 



(Spezifische Beispiele fOr das Monomer, das euie Partialstruktur der FormeL (III) eigibt) 
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CH3 


CH2=C-C-N— <^(^)>-Cl 
0 

15. COOH 

10 


CH2=CE-C-N-\(^;-Cl 
0 

16. COOH 


IS 


H 


CH2=C-C-N-<,ej>-Br 


CH3 ^ ^^22^ 


CH2=C-^-N-<^^CH3 
O 

18. COOH 

CH2=C-C-0-(^VcH3 
0 2l" 


30 


3S 

CHs 

Zu spezifischen Beispielen fOr das Monomer, das eine Pardalstruktur der Formel (TV) ergibt, gehdren Acryl- 40 
saure Oder ihre Ester (z. R Acr^llure» Methjiacr^at, Ethylacrylat, IsobutylaCTylat, n-Butylacr^at, Hexylacrykt, 
Octylacrylat, Benzylacrylat, 2-HydroxyethylacryIat, 2-C^anoethylacrylat» Glyddylaciytat, Dimethylaminoethyl- 
acrylat); Methacrylsiure und ihre Ester (z. B. Methacrylsflure, MethylmethaCTylat, Etl^Imethacrylat, n-Butylme- 
thacrylat, Isobutylraethacrylat» tert-Butylmethacrylat, Hexylmethacrylat, 2-Eth^exyhnethacrylat, Laurybnetha- 
cryiat, Tridecylmethacrylat, Cydohexylmetfaacrylat, BeDzylmethacr^at, 2-Hy(lroxyetbylmethacrylat, 2-Hydrox- 45 
ypropylmethacrylat, Dimethylainmoethylmethacr^t, Diethylaminoeth^ethaCTylat, Glycitfylmethacrylat, Te- 
trahydrofurfurylmethacrylat, Allylmethacrylat); Acr^amide (z. B. Acrylamid, N-Methylaarylamid, N-Ethylacry- 
lamid, N-Iscpropylacrylamid, N-t-Butylaciylamid, K-Phenylacr^ami^ N-Benzylacryiamid, der folgenden For- 
mel 19); 


19. 


CH2=CH-C-N-<^)-S02NH2 


50 


55 


und Methacrylamide (z. B. Methacrylamid, N-Methylmethaciylanud, N-Ethylmethacayiamid* N-Isopropybne- 
thacnrylamid, N-t-Butylmethaarylamid, N— n-Octylmethacr^amid, N-(2-Eth^exy]^ethacrylaimd, N-(2-Hy- 
droscypropyQmethacrylamkl, N-Benz;^methacr^aiiikl der folgenden Formel 20) 

CHs ^ 
CH2=C-C-N-^^-S02NH2 
O 


fiS 
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ZuspezifischenBeispielenfGrdasM n tner»dasem Pftrdalstnikturda-FormelCV) rgiHgehOren Acr;^- 
tril Acrolein und StyroL 

Spezifische Beispiele fOr die hochmolekulare Verbindung fOr (fie erftndimgsgemfiSe Verwendung sind nach- 
stehend angegebeiL Das Zusammensetzuiigsverhftltnis der Polymerstruktur ist das Moiverhaitnis. 


-(CHz-CE^ HQ 

C-O-CHzCHz-O-C -(C J)-OH 
0 


HO 


No. 2 

Me 

-fCHz-C)- ^S—A 

C-0-CH2CH2-0-C^<^>-OH 


No. 3 

C-0-CH2CH2-0-C-<O>0H 


OH 


No. 4 


-<CH2-CHr^ 


C-0-CH2CH2-0-C-(C j)-OH 
0 

CH3 
-iCELz-C) 


CO -NH-SOz-^^- CH3 
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No. 5 

C-0-CHzCH2-0-CH(Q)-OH 
O 0 

-(CHz-CB^ 

SOz-NH-CO-^^CHa 


No. 6 


Me 


No. 7 


^Z-CEf^ HO 

C-0 -CHzCHz - 0-C "-^O)-0H 
O 0 

HCHz-CHt^ 

V 

SOz-NH-SOz— ^^-Me 
Me 


^CHz-C^ HO 

C-0 - CHzCHz- O - C -(Q^OK 


CHs 


CO-NH-<^>-Cl 
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No. 8 

C-0-CHzCH2-0-C-<^^0H 
O O 

Me 

C0-NH-S02-<())-Me COO-fCHz^j-CHs 

No. 9 

C-0-CH2CH2-0-C-^J>-OH 


0 


CH3 


CO-NH-S02nX;/-CH3 COOCTz 



-(CH2-CH^ 
CN 


No. 10 


C-0-CHzCH2-0-C-<^)-0H 


CH3 


CO-NH-S02-\CJ)-CH3 COO-(CH2)^CH3 


CN 
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No. 11 


C-0-CH2CH2-0-G-\C^^OH 
0 

Me CH3 
C0-NH-S02-^Q) COOH 


No. 12 


C-0-CH2CH2-0-C^Q>-OH 



-fCH2-C>— - ^ -<CH2-CH) 


C0NHS02-<J^>-Me CONH-^^^SOzNHz 


Die erfindungsgemiBe hochmolekulare Verbindung kann normalerweise hergestellt werden dutch ein radika- 
lisches Kettenpolymerisationsverfahren (wie von F.W. Billmeyer in "Textbook of Polymer Science*, 3. Auflage, A 
Wiley-Interscience Publication, 1984, beschrieben). 

Das Molekulargewicht der hochmolekularen Verbindung mit einer polymerisierbaren Einheit der Formel (I) 
unterliegt keinen speziellen Beschrflnkungen und kann innerhalb eines breiten Bereiches liegea Es betrfigt 
jedoch vorzugsweise 500 bis 2 000 000, besonders bevorzugt 2000 bis 1 000 000, beredmet als gewichtsdurch- 
schnittliches Molekulargewicht Mw, b^immt durch GelpenneationsGfaroinatDgraphie oder ein Llchtstreuungs- 
verfahren mit Polystyrol als Bezugssubstanz. 

Die positiv arbeitende lichtempfindlidie Substanz ftir die erfindungsgemflBe Vcrwendung ist vorzugsweise 
eine o-Naphthochinondiazidverbindung. Zu Betspielen fQr die o-Naphthochinondiazidverbindungen gehdren 
Ester von i,2-Diazonaphthochinonsulfonsllurechlorid mit einem Pyrogallolacetonharz und der Ester von 1,2-Di- 
azonaphthochinonsuifonsfturechlorid mit 23>4-Trihydroxybenzophenon, wie in JP-B-43-28403 beschriebea 

Zu weiteren bevorzugten Beispielen der o-Naphthochinondiazidverbindungen gehOren Ester von 1,2-Diazo- 
naphthocbdnonsuifonat-chlortd mit Phenol-Formalde^d-Harzen, wie in den US-Patenten 3 046 120 und 
3 188 210 beschrieben, Zu weiteren verwendbaren Beispielen fdr o-Naphthochinondiazidverbindungen, die 
erBndungsgemaB verwendet werden kdnnen, gehOren solche, wie sie in vielen Patenten beschrieben und aus 
dem Stand der Technik bekannt sind. Zu Beispielen fUr diese o-Naphthochinondiazidverbindungen gehdren 
sotehe, wie sie in IP-A-47-5303, JP-A-48-63802, JP-A-48-63 803, JP-A^^96575, IP-A-49-38701, JP-A-48- 13354, 
JP-B-41-11222, JP.B-45-9610. IP-B-49-17481, m den US-Patenten 2 797 213, 3 454400, 3544 323, 3 573 917, 
3 674 495 und 3 785 829, in den britisdien Patenten 1 227 60% 1 25 1 34% 1 267 005, 1 329 888 und 1 330 932 und in 
dem deutschen Patent 854 890 beschrieben sind. 

Zu weiteren Beispielen fflr positiv arbeitende lichtonpfindliche Substanzen, die von den o-Naphthochinondia- 
zidverbindungen verschicden smd^ die erfindungsgemftB verwendet werden kdnnen^ gehdren Polymerverbin- 
dungen, die eine o-Nitrocarbmolestergruppe aufweisen, wie in JP-B-56-2696 beschriebra. 

AuBerdem kann erfindungsgem&fi als spektral empfindlicfae Substanz eine Mlsdiung aus einer Verbindung; 
die einer Photozersetzung unterliegt onter Bildung einer Siure» und emer Verbindung mit einer C— O— C-Gnip- 
pe Oder einer C— O — Si-Gn^pe, die unter der Einwirkung einer SSure dissoadlert, vmirendet werdea Zu 
Beispielen ftir eine soiche Mischung gehdren Kombinationen aus einer Veri>indung, die einer Piiotozersetzung 
unterliegt unter BUdung einer S&ure, und einem Acetal oder einer OJ^-Acetalverbindung (wie in JP-A-48*89003 
beschrieben), einer Orthoester- oder Amidacetalverbinduog (wie in JP-A-51-120714 besciiriei>enX einem Poly- 
mer mit einer Acetal- oder Ketalgruppe in seiner Hauptkette (wie in JP-A-53-133429 beschriebenX emer 
EnoUitherverbindung (wie in JP-A-55-12^5 beschriebenX einer N-AcyiiminocarbonsSureverbindung (wie in 
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]P-A-55-i26236 beschrieben), einem Polymer mit einer Orthoestergnippe in seiner Hauptkett (wie in JP- 
A-56-1 7345 beschriebenX einer Silylesterverbindung (wie in JP-A-60-1Q247 beschrieben) und einer Si^lfttherv r- 
bindung(wie in JP-A-60-37549 und JP-A-60-121446 beschrieboiX 

Die posttiv arbeitende licfatempfindliche Substanz wird der liditempfindlu^en Zusanunensetzung voncugs* 
weise in einer Menge von 5 bis 80Gew.-%. besonders bevorzugt von 10 bis 50Gew.-%, bezQgen auf das 
Gesamtge wicht der lichtempfindlichen Zusanunensetzung, einverieibt 

Die erfindungsgemilBe Ifehtempfindiiche Zusanunensetzung kann verschiedene eingearb itet Zus&tze ent- 
balten. So kann beispielsweise eine bekannte waOrige alkalildsliche hochm lekulare Verbindung, wie Phen Ifor- 
maldehydharz, Kresolfonnaldehydharz, Phenol-modifiziertes Xyloiharz, Polyhydroxystyrol und polyhalogenier- 
tes Hydroxystyrol, der lichtempHndlichen Zusanunensetzung einverieibt werden zur Verbesserung verschiede- 
ner Eigenschaften, wie der Drucklebensdauen der Belichtungseigenschaften, der EJnbrenneigenschaften, der 
chemischen Bestandigkeit (Chemikalienbestandigkeit) und Entwickelbarkeit Eine solche wdfirige alkalildsliche 
hochmolekulare Verbindung wird dem Polymer mit einer Partialstruktur, daigestellt durch die Formel (IX 
vorzugsweise in einer Menge von 0 bis 200 Gew,-%, besonders bevorzugt von 0 bb 100 Gew.-%, bezogen auf 
das Gesamtgewicht der lichtempfindlichen Zusammensetzimg, einverieibt 

pie erfindungsgemftBe lichtempfindliche Zusanunensetzung kann aufierdem verschiedene Zusfttze enthalten, 
beispielsweise eine cyclische Anhydro-Saure zur Verbesserung der Empfindlichkeit, ein Auskopiermittel zur 
Erzeugung eines sichtbaren Bildes kurz nach der Belichtung, einen Farbstoff als Bild^rbemittel und andre 
FQllstoffe. Zu Beispielen fUr die cyclische Anhydros^ure gehdren Phthais§iireanhydrid,TetrahydrophthaIatanhy- 
drid, Hexahydrophthalatanhydrid, 3,6-Endoxy-A^-tetrahydrophthaiatanhydrid, Tetracyiorophthalatanhydridp 
Maleinsaureanhydrid, Chloromaleins&ureanhydrid, a-PhenylmiildnsiureanhydridL Bemsteinsftur^anhydrid und 
Pyromellithsaure, wie in dem US-Patent4 1 15 128 beschrieben. 

Die cyclische Anhydrosfiure kann der lichtempfindlichen Zusanunensetzung in einer Menge von 1 bis 
15 Gew.-%, bezogen auf das Gesamtgewicht der lichtempfindlichen Zusammensetzung; einverieibt werden, um 
die Empfindlichkeit um einen Faktor von hdchstens 3 zu veribessem. Bn ^isches Bdspiel fOr das Auskopiermit- 
tel zur Erzielung eines sichtbaren Bildes kuiz nach der Belichtung ist eine Kombinatu>n aus einer lichtempfindli- 
chen Substanz, die beim Beltchten erne S&ure freisetzt, und einem organisdien Farbstoff, der mit der liditemp- 
findlichen Substanz ein Salz biklen kann. Zu spezifiscfaen Beispielen fOr eine solche Kombinatbn gehdren eine 
Kombination aus einem o-Naphthochinondiazid-4-suIf6nsiurehak>genid und emem safaebiklenden organischen 
Farbstoff, wie in JP-A-50-36209 und JP-A-53-8128 beschrieben, und eine Kombination aus emer THhalogenme- 
thylverbindung und einem salzbildenden organisdien Parbstoft wie in JP-A-53-36223 und JP-A-54-74728 be- 
schrieben. Als Bildffirbemittel kdnnen neben dem salzbildraden organischen Farbstoff auch andere Farbstoffe 
verwendet werdea Zu Beispielen fOr geeignete Farbstoffe, die auch einen sahbildenden organischen Farbstoff 
enthalten, gehdren verschiedene dlldsliche Farbstoffe und basische Farbstoffe. Zu spezifischen Beispielen fOr 
diese Farbstoffe gehdren Oil YeUow # 101, OU YeUow # 130, OU Pmk #31^ Oil Green BG, Oil Blue BOS, Oil 
Blue # 603, Oil Black BY, on Black BS, Oil Black T-506 (erhaltlich von der Fuma Orient Chemical Industry Co, 
LtdX KristaDvk>lett (CI42555X Methyhaolett (CI42535X Rhodamm B (a45170Bl MalachitgrOn (CI42000) und 
MethyIenblau(CI52015). v ^ v / 

AuBerdem kOnnen verschiedene Zusatze der erfindungsgem&Ben lichten^>findlichen Zusammensetzung zuge- 
geben werden. Zu Beispielen dafOr gehdren Alkyiather (z, R Ethylcellulose, Methjicellulosel fiuorierte oberflft- 
chenaktive Agentien (z. B. vorzugsweise solche, wie sie in JP-A-62- 170950 beschrieben sind) und nicht-ionische 
oberflSchenaktive Agentien (z. B. vorzugsweise fiuorierte oberflachenaktive Agentien) zur Verbesserung der 
Beschichtbarkeit; Wgrmevemetzungsmittei zur Verbesserung der Druckeigenschaften nach der l^brennbe- 
handlung (z. R vorzugsweise Verbmdungen, wie sie in JP-B-1-49932, EP-A-589309, in den japanischen Patentan- 
meldungen Nr. 4-303515 und 5-161256 beschrieben sind); Weichmacher zur Erzielung einer Oberzugsflexibilit&t 
und Abriebsbestandigkeit (z. R But^phthalyl, Polyethylenglyool, TVibu^dtrat, Dieth^phthalat, Dibu^lphtiia- 
lat, Dihexylphthalat. Dioctylphthalat, Trikresylphosphat TWbutylphosphat, IVioctyiphosphat, Tetrahydiofurfii- 
ryloleat, Acryl- oder Methacryl-Oligomer und -Polymer (IVikres^phosphat ist unter diesen Weichmacfaem 
besonders bevorzugt); und Druckfarbe aufnehmende Agentien zur Verbesserung des Druckfarbaufoahmever- 
mdgens des Bildbereiches (z. R Verbindungen, die erhalten werden durch Halbveresterung von Styrol-Malein- 
sRureanhydrid durch Alkohol, Octylphenolformaldehyd-Novolak-Harze und Verbindungen, die erhalten werden 
durch 50%-ige aliphatische Veresterung von p-Hydroxystyrol, wie in JP-A-55-527 beschrieben). Die Menge, in 
der diese Zusfttze zugegeben werden, hlngt von dem y^rwendangszweck ab, im aDgemeinen betrSgt sie jedoch 
0,01 bis 30 Gew.*%, bezogen auf den Gesamtfeststofl^ehalt in der Zusammensetzung. 

Die erfindungsgemaBe lichtempfindliche Zusammensetzung wird auf einen IVSger aufgebracht in Form einer 
Ldsung in einem Ldsungsmittel, das die obengenannten verschiedene Komponenten aufldsen kann. Zu Beispie- 
len for das Ldsungsmittel gehdren Ethylendiclilorid, Cydohexanon, Methyletfaylketon, Ethylenglyoohnonome- 
thylather, Propylenglycolmonomethyiather, Etlvlenglycolmonoetfa^ftther,2-Methoxyethyiather, Ethylenglycol- 
monoethyl&ther, 2-Metho3vethylacetat, Propylen^yoolmonometh^theracetat Dieithylenglyoolmonomet^&- 
theracetat, Toluol und Ethylacetat Diese Ldsungsmittel kdnnen ebzeln oder in Form einer Kombination mit 
einem oder mehreren derselben verwendet werden. IMe Konzentration (der Feststoffgehalt) der obengenannten 
Komponenten m der Ldsung betrftgt vorzugsweise 2 bis 50 Gew.-%. Die Beschichtungsmenge der lichtempfind- 
lichen Zusammensetzung hangt von dem Verwendungszweck ab. Sie betrigt z. R vorzugsweise 0J5 bis 3,0 g/m^ 
berechnet als Feststoffgehalt, im Falle der liditempfindlichen lithographischen Drudqilatte. Je geringer die 
Beschichtungsmenge der lichtempfindlichen Zusammensetzung ist, um so hdher ist die Empfindlichkeit; um so 
schlechter sind jedoch di physikalischen Eigenschaften der liditempfindlichen Schidit 

Die erfindungsgemaB lichtempfindliche Zusanunensetzung ist besonders geeignet als luhtempfindlich 
Schicht fOr eine lichtempfindliche lithographische Drudq)latte. 
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Die lichtempfindliche lithographisch Dnickplatte wird nachstehend nfther beschrieben. 

Der Trftger fOr die erfindungsgemiBe Verwendung ist vorzugsweise em dimensionsbestlndiges Flatten- bzw. 
Foiienmat rial Als ein solches dimensi nsbestftndiges Flatten- bzw. Folienmateriai wird vorzugsweise ein 
solches verwendet, wie es auch bisher als TYiger fOr Drucksachen verwendet worden ist Zu Beispielen fllr ein n 
solchen TrSger gehdren Papier, Fapier, das mit Kunststoffen (wie Folyethylen, Folyprop^en. Folystyrol) lami- 
niert ist, eine Metallplatte, z. B. aus Aluminium (einschlieBlich einer Aluminiumiegi rungX Zink- und ICupferpIat- 
ten, ein Kunststol^ilm, z, B. aus Cellulosediacetat, Cellul setriacetat. Cellulosepropionat, Celluloseacctat, Cellulo- 
seacetatbutyrat, Cellul senitrat, Polyethylenterephthalat, Folyethylen, Folystyrol, Folypropylen, Folycarbonat 
und Polyvinylacetal, und Fapier oder ein Kunststo^ilm, der mit einem der obengenannten Metaile laminiert oder 
durch Dampfabscheidung metallisiert worden ist Unter diesen Trftgem ist eine Aluminiumplatte bemerkens- 
wert dimensionsbestandig und billig und weist eine ausgezeichnete Haftung an der erfindungsgem^n iicht- 
empfindiichen Schiciit auf und kann somit erfindungsgemftfi bevorzugt verwendet werden. AuBerdem ist eine 
VerbundfoUe, die eine Aluminiumfolie aufweist, die auf einen Polyethylenterephthalat^ auflanuniert ist, In 
JF-B-48-18327 besduiebea 

Ein metallischer TYflger, insbesondere ein Alumiiuumtriger, wird vorzugsweise einer OberflSchenbehandlung, 
beispielsweise einer Aufrauhung und anodischen Oxidation, unterworfen. AuBerdem kann er zur Verbesserung 
der Hydrophiile der Oberfladie des metallischen THlgers in erne wfiBrige LSsung von NatriumsUicat, Kaliumar- 
koniumfluorid oder Fbosphat eingetaucht werdea Eine Aluminiumplatte, die aufgerauht und dann in eine 
w&Brige Natriumsilicatldsung eingetaucht worden ist, wie in dem US-Patent 2 714 066 beschrieben, und eine 
Aluminitunplatte, die anodisch oxidiert und dann in eine w&firige Alkalimetallsilicatidsung eingetaucht worden 
ist, wie m IF-B-47-5125 beschrieben, sind bevorzugt DarQber hinaus sind eine Silicat-Elektroabscheidung, wie 
sie in dem US-Patent 3 658 662 beschrieben ist, und erne Kombination aus einer elektrolytischen Aufrauhung 
und der obengenannten anodischen Oxidation und eine Natriumsilicat-Behandlung, wie in JP-B-46-27481, JP- 
A-52-58602 und JP-A-52-30503 beschrieben, fOr die Oberflfichenbehandlung anwendbar. AuBerdem kann eine 
aufeinanderfolgende Kombination von BOrstenaufrauhung, elektrolytischer Aufrauhung, anodischer Oxidation 
und Natriumsilicat-Behandlung, wie in JP-A-56- 28893 beschrieben, bevorzugt angewendet werdra. 

Die Aluminiumplatte kann gegebenenfalls mit einer organischen Zwischenschicht (Haftschicht) versehen 
werden, bevor sie mit einer fi^tempHndlichen Schicht beschichtet wird. Zu Beispielen filr die organischen 
Verbindungen, die in diese organische Zwischenschicht (Haftschicht) eingearbeitet werden kdnnen, gehdren 
Carboxymethylcellulose; Dextrin; Gununiarabicum; Phosphons&uren mit einer Aminogruppe^ wie 2-Aminoet- 
hyiphosphonsfiure; organische Phosphonsfturen, z.B. Phenytphosphonsauro, Naphtfayiphosphons&ure, Alkyl- 
posphons&ure, Glycerophosphonsfture, Methyjendiphosphonsiure und Etfaylendiphosi^onsaure^ die emen oder 
mehr Substituenten aufweisen kSnnen; organische Esterphosphate^ z, B. Phei^phosphorsfture, Naphthylphos- 
phorsfture, Alkylphosphorsiure und Glycerophosphorsiure, (fie emen oder mehr Substituenten aufweisen kAn- 
nen; organische PhosphinsiLuren, wie I^enylphosphinsflure, Naphthylphosphinsfture, Alkylphosphins&ure und 
Glycerophosphinsiure, die einen oder mehr Substituenten aufweisen kdnnen; Aminosfturen, wie Glydn und 
P-Alanin; und Hydrochloride von Hydroxyl-enthaltendem Amin, wie das Hydrochlorid von TViethanolamin. 
Diese organischen Verbindungen kdnnen einzehi oder in Form einer Kombmation mit einem oder mehreren 
derselben verwendet werden. 

Die obengenannte organische Zwischenschicht (Haftschicht) kann wie folgt aufgebradit werden: im einzehien 
kann die obengenannte organische Verbindung auf eine Aluminiumplatte aufgebracht werden in Form einer 
Ldsung in Wasser, in einem organischen Ldsungsmittel, wie Methanol, Bthanol und Methylethylketon, oder einer 
Mischung davon, und dann kann sie getrocknet werden unter Bildung einer organischen Zwischenschicht 
(Haftschicht). Altemativ kann eine Aluminiumplatte in eine Ldsung der obengenannten organischen Verbindung 
in Wasser, in einem organischem Ldsungsmittel, wie Methanol, Ethanol und Methylethylketon, oder in einer 
Mischung davon eingetaucht werden, so dafi die obengenannte organisdie Verbindung an der Aluminiumplatte 
adsorbiert wird. Die Aluminiumplatte wird beispielsweise mit Wasser gewaschen und dann getrocknet unter 
Bildung einer organischen Zwischenschicht (Haf^chidit). In dem erstgenannten Verfahren kann erne L6sung der 
obengenannten organischen Verbindung mit einer Konzentration von 0^005 bis 10 Gew.-% unter Anwendung 
verschiedener Verfahren in Form einer Schicht auf die Aluminiumplatte aufgebracht werden. So kann beispiels- 
weise eine Stabbeschichtung, eine RoUtionsbeschichtung(Schleuderbeschicfatung), eine SprOhbeschichtung und 
eine Vorhangbeschichtung angewendet werden. In dem zuletzt genannten Verfahren kann die Aluminiumplatte 
in eine LOsung der obengenannten organischen Verbindung mit einer Konzentration von OJQt bis 20 Gew.-%, 
vorzugsweise von 0,05 bis 5 Gew.-%, bei einer Temperatur von 20 bis 9(fQ vorzugsweise von 25 bis SO^C, 0,1 s 
bis 20 min, vorzugsweise 2 s bis 1 min lang eingetaudit werden unter Bildung emer orgamschen Zwischensdiicht 
(Haftschicht). 

Die obengenannte Ldsung kann mit einer basischen Substanz, betsf^elsweise Ammoniak, Trieth^amin und 
Kalhmihydroxid, oder mit einer sauren Substanz, wie Chlorwasserstoffeiure und Phosphorsfture, vor der Ver- 
wendung auf einen pH-Wert von 1 bis 12 emgestellt werden. Der LOsung kann ein geOber Farfostoff zugesetzt 
werden. um das Farbtonwiedergabevermdgen der lichtempfindlidien Itthographlschen Dnidq>latte zu verbes- 
sem. 

Die Beschichtungsmenge der organischen Zwischenschicht (Haftschicht) in getrodmeter Form betrSgt vor- 
zugsweise 2 bis 200 mg/m^, besonders bevorzugt 5 bis 100 mjg/m^. Wenn diese Menge weniger als 2 mg^m^ 
betrfigt, kdnnen keine ausreichenden Druckeigenschaften endeh werdea Wenn diese Menge dagegen 200 mgf 
m^ Qbersteigt, kdnnen ebenfalls k ine ausreichenden Druckeigenschaften erzielt werden. 

Die Oberfiache der lichtempfmdlichen Schicht auf d r liditempfindiichen lithogr^hisch n Druckplatte ist 
V rzugsweise mattiert, um die f Or die Evakuierung bei der Kontaktbetichtung unter Verwendung eines Vakuum- 
druckrahmens erforderiiche Zeit abzukOrzen und inen Mangel an SdiSrfe beim Drudcen zu verfaindem. Im 
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einzelnen kdnnen ein Verf ahreii» das die Aufbriogung einer Matdemngsschicht auf die Oberflftdie der liditemp- 
findlichen Schicht vorsieht, wi in JP-A-50- 12580% JP-B-57-6582 und JP-B^i-28986 beschrieben, und ein Verfah- 
ren» welclies das Wirmeschmelzen eines Feststo^ulvers auf der Oberflflche der lichtempfindlich n Schicht 
vorsiehtwieinJP-B-62-62337beschrieb n,ang w ndetwerden. 
5 Beispiele fOr die Lkditquelle, die fOr die bildmlBige Belichtung der erfindungsgemiBen lichtempfindlichen 
lidiographischen Druckplatte v rwendet werden kann, sind ein Kohlelichtbogenlampe, ein Quecksilb r- 
dampflampe»eineXenonlampe,ein Wolfiramlampe und eine Metallhal genidltunpe. 

Ab Entwickler fOr die lichtempfindliche lithographische Druckplatte wild eine w&firige Alkaiildsung mit 
einem pH-Wert von 12^ oder weniger, vorzugsweise von 10^ bis 12^, verwendet Zu Beispielen fOr die 

10 basischen Verbindungen zur Einstellung des pH-Wert-Bereiches gehdren Phosphate, wie Natrium-tert- 
phosphat, Kalium-tert-phosphat, Ammonium-tert-phosphat, Natrium-sec-phosphat, Kaiium-sec-phosphat und 
Ammonium-sec-phosphat; Carbonate, wie Ammoniumhydrogencarbonat, Natriumcarbonat, Kaliumcarbonat, 
Ammoniumcarbonat, Natriumhydrogencarbonat und Kalhimhydrogencarbonat; Borate, wie Natriumborat, Ka- 
liiunborat und Ammoniumborat; und Hydroxide von Alkalimetalien, wie Kaliumhydroxid, Natriumhydroxid, 

15 Utliiumhydroxid und Ammoniumhydroxid. Ein besonders bevorzugtes Beispiel f Or die basische Verbindung ist 
eine ICombination aus einem Carbonat und einem Hydrogencarbont Diese basischen Verbindungen werden 
einzein oder in KLombination mit einer oder mehreren derselben verwendet 

Zu weiteren Beispielen fDr die basischen Verbindungen, die erHndungsgemaB verwendet werden kOnnen, 
gehdren wasserldsliche organische Aminverbindungen, wie Monomethylamin, Dimethyiamin, Trimethylamui, 

20 Monoetliylamin, Diethylamin, Triethylamin, Monoisopropylamin, Diisopropylamin, n-But^amin, Monoethano- 
lamin, Diethanolamin, Triethanolamin, Monoisopropanolamin, Diisopropanolamin, Ethylenimin, Ethylendiamin 
und Pyridin. Unter diesen basischen Verbindungen besonders bevorzugt sind Monoethanoknun, Diethanolamin 
und Trietlianolamin. Diese basischen Verlnndungen kdnnen in Kombmation mit einem anorganischen Alkalime- 
tailsalz verwendet werden. 

25 Die Konzentration der basischen Verbindung in der w^rigen LOsung kann so sem, daB die wfifirige Lfisung 
einen pH-Wert von 12,5 oder weniger, vorzugsweise von 10,5 bis 12A hat wie oben aqgegeben, sie betrSgt 
jedoch in der Regel 0^05 bis 10 Gew.-%. 

Erforderlichenf alls kann der Entwickler ein eingearbeitetes anionisches oberfltdienakdves Agens enthalten. 
Zu Beispielen fOr em sotehes anionisches oberflftchenaktives Agens gehdren Salze von Schwefelsftureestem 

30 hSherer Alkohole mit 8 bis 22 Kdilenstoffatomen, wie das Natriumsalz von Laurylalkoholsulf at, das Natriumsalz 
von OcQrIalkohoIsulfat, das Ammoniumsalz von LaurylaDcoholsuIfat und sec-Natriumalkylsulfat; Salze von 
aliphatischen Alkoholphosphorsftureestem, wie das Natriumsalz von Cetylalkoholphosphorsftureester; Alkyla- 
lylsulfonate, wie das Natriumsalz von Dodecylbenzolsulfonat, das Natriumsalz von Isopropyhiaphthalinsulfonat 
und das Natriumsalz von Metanitrobenzolsulfonat; Sulfonate von Alk^amiden, wie 

35 Ci7H33CON(CH3)CH2CH2S03Na; und Sulfonate von dibasischen aliphatischen Estem, wie Natriumsulfosucci- 
natdioctylester und Natriumsulfosuccinatdihexylester. 

Das anionische oberflachenaktive Agens wird dem Entwickler vorzugsweise in einer Menge von 0,1 bis 
5 Gew.-%, bezogen auf das Gesamtgewicht des Entwicklers in der verwendbaren Form, emverleibt Wenn diese 
Menge weniger als 0,1 Gew.-% betragt, ist der vorgesehene Effekt des amonischen oberflSchenaktiven Agens 

40 vermindert Wenn andererseits diese Menge 5 Gew.-% Obersteigt, bewirkt sie eine QbennfiBige Elution des 
Farbstoffes in dem Bildbereich (Entf£lrbung) oder sie fOhrt zu Stdrungen, beispielsweise einer Beeintrftchtigung 
der mechanischen Festi^eit (beispielsweise der AbriebsbestSndigk^) und der dienuschen BestSndi^it des 
Bildes. 

Der Entwickler kann femer ein mit Wasser mischbares organisches Ldsungsmittel wie Benzylalkohol enthaU 
45 ten. Als ein solches organisches Ldsungsmittel wird em sok:hes mit einer Ldslichkeit von 10Gew.-% oder 
weniger, besonders bevorzugt von 5 Gew.-% oder weniger, bevorzugt verwendet Zu Beispielen fOr das organi- 
sche Ldsungsmittel gehdren 1-Phenylethanol, 2-Phenylethanol, 3-Phenylpropanol4-Phenyl-l-butanol,4-Phen^- 

1- butanol, 4-Phenyl-2-butanol, 2-Phenyl-l-butanoI, 2-Phenoxyethanol, 2-Benzyloxyethanol o-Methoxybenzylal- 
kohol, m-Methoxybenzylalkohol, p-Methoxybenzylalkohol, Benz^alkohol, Qyclohexanol, 2-Methylcyclohexan- 

50 ol, 4-MethylcyclohexanoI und 3-MethylcyclohexanoL 

Der Gehalt an dem organischen Ldsungsmittel betrfigt vorzugsweise 1 bis 5 Gew.-%, bezogen auf das 
Gesamtgewicht des Entwicklers in der verwendbaren Form. Die Menge, in der das organische Ldsungsmittel 
verwendet werden soli, steht in enger Beziehung zu der Menge, in weldier das anionische oberflSchenaktive 
Agens verwendet werden solL Wenn die Menge des zu verwendenden oiganischen Ldsungsmittels steigt, steigt 

55 vorzugsweise auch die Menge des verwendeten anionischen oberflacheni^dven Agens. Dies ist deshalb so, weil 
dann, wenn das organische Ldsungsmittel in dner groBen Menge verwendet wird, wShrend das flnV>P'fichff 
oberflichenaktive Agens in einer geringen Menge verwendet wird, es in dem QitwicUer nicht geldst werden 
kann, wodurch es unmdgUch wird, dne ausgezeichnete Entwickelbaiteit zu erzielea 
DarOber hinaus kann der Entwickler emgearbdtete Zusfttz^ wie erne Amlscfaaum-FlQssigkeit und emen 

60 Wasserentharter, enthalten. Zu Beispielen fOr einen solchen Wasserenthirter gehdren Polyphosphate, wie 
Na2P207, NasPaOa. NajPsOo, Na204F(Na03P)P03Na2 und Calgon (Natriumpolymetaphosphat); Aminopolycar- 
bons§uren (z. B. Ethylendiammtetraessigsaure^ das Kaliumsalz derselben, das Natriumsalz derselben; Diethylen- 
triaminpentaessigs&ure, das Kaliumsalz derselben, das Natriumsalz derselben; THethylentetraminhexaessigs&u- 
re, das Kaliumsalz derselben, das Natriumsalz derselben; Hydroxyeth^ethylendiamintriessigsfture, das Kaliums- 

65 alz derselben, das Natriumsalz derselben; NitrilotriessigsSlure, das Kaliumsalz derselben, das Natriumsalz dersel- 
ben; 1,2-DiaminocycIohexant traessigsaure, das Kaliumsalz d rselben, das Natriumsalz derselben; 13-Diamino- 

2- pr panoltetraessigs&ure, das Kaliumsalz derselb n, und das Natriumsalz dersdben) und organische Phosphon- 
siuren (z.B. 2-Phosphonobutan-l,2,4-tricarboxylat, das Kaliumsalz derselben, das Natriumsabc derselb n; 
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2-Phosphonobutan-23,4-tricarbox^at, das KaUumsaJz derselben und das Natriumsalz derselben; 1-Phosph no- 
ethan-1 A2-tricarboxylat, das Kaliumsalz desseiben, das Natriumsalz desselben; l-Hydroxycthan-l.l-diphospho- 
nat, das Kaliumsalz desselben, das Natriumsalz desselben; Amin tri(methylenphosphonsfiurcX das Kaliumsalz 
derselben und das Natriumsalz derselben^ Die Menge, m weldier der Wass rentharter verwendet w rden soil, 
hlngt V n der Harte und der M enge des verwendeten Wassers ab, sie betrftgt jedocb im allgemeincn v rzugs- 
weise 0,01 bis 5 Gcw.-%, insbesondere 0,01 bis 0,5 Gew.-%, bezogen auf das Gewicfat des Entwicklers in der 
verwendbaren Form. 

Sclbstverstandlich kann die lichtempfindliche lith graphische Druckplatte iner Plattenherstellungsbehand- 
lung unterworfen werden unter Anwendung der verschiedenen Verfahren, wie sie in JP-A-54-8002, JP- 
A-55-1 15045 und JP-A-59-58431 beschrieben sind. Im einzeken kann die iichtempfmdliche lithographische 
Druckplatte, die entwickelt worden ist, sofort oder nach dem SpQlen einer Desensibilisierungsbehandlung 
unterworfen werden oder sie kann mit einer wftfirigen Ldsung behimdelt werden, die eine S^ure enthftlt, woran 
sich gegebenenfalls die Desensibilisierungsbehandlung anschtieDt Da der Entwickler sich erschdpft, wenn die 
Behandlung bei der Entwicklung dieser Art einer lichtempfindlichen lithographischen Druckplatte fortschreitet, 
kann auBerdem ein Ent^cMungserggnzungsmittel oder ein frischer Entwickler dem Entwidder zugesetzt 
werden, urn die Behandluogs- bzw. Entwicklungskapazitftt des Entwicklers wiederherzustellea In diesem FaU 
kann vorzugsweise ein Verfahren, wie es in dem US-Patent 4 882 246 beschrieben isl; zur DurchfOhrung der 
Erg^nzimg angewendet werden. 

Die obengenannte Plattenherstellungsbehandlung kann vorzugsweise unter Verwendung einer automatl- 
schen Entwicklungsvorrichtung durchgeftthrt werden, wie sie in JP-A-2-7054 und JP-A-2-32357 beschrieben ist 

Wenn die erfmdungsgemaBe Iichtempfmdliche lithogrs^hische Druckplatte einer Ausldschung der nicht-er- 
forderiichen Bildflache nach dem bildmaBigen Beiichten, Entwickehi, Waschen mit Wasser oder Spiilen unter- 
worfen wird, kann vorzugsweise eine AusldsdiungsflQssigkeit, wie sie in in JP-B-2-13293 beschrieben ist, ver- 
wendet werden. Als Desensibilisierungsgunmii bzw. -harz, das gegebenenfalls in der SchluBstufe des Plattenher- 
stellungsverfahrens in Form einer Schicht aufgebracht wird, werden vorzugsweise diejenigen verwendet, wie sie 
in JP-B-62-16834, JP-B-62-25114, JP-B-63-52600, JP-A-62-7595. IP-A-2.11693 und JP-A^2-83]94 beschrieben 
sind 

AuBerdem wird die er&idungsgemaBe lichtempfindHche lithographische Druclqilatte dann, wenn sie bildma- 
Big belichtet, entwickelt, mit Wasser gewaschen oder gespillt, gegebenenfalls einer LOschung imterworfen, mit 
Wasser geiimchen und dann einem Einbrennen unterworfen wird, vor der Snbrenn-Behandlung vorzugsweise 
mit einem Einbrenn-Konditionierungsmittel behandelt, wie in JP-B-61-2518, JP-B-55-28062, JP-A-31859 und 
JP-A-61 -159655 beschrieben. 

Die Erfmdung wird in den folgenden Beispielen ndher beschrieben, es ist jedoch klar, daB sie keineswegs 
darauf beschrinJct ist AUe darin angegebenen Prozentsfttze sind, wenn nichts anderes angegeben ist, auf das 
Gewk:htbezogea 

Synthesebdspid 1 
Synthesevon2-(2,4-Dihydrozybenzo^oxy)etlqrlacrylat(Verbindung 1) 
Diese Verbindung wurde nach dem folgenden Reaktionsschema ^yntfaetisiert: 


OH OH 
S0'^O)"C00H ^'^^ZCHZQH^ -^^-COOCHzCHzOH 

(Verbindung a) 

OH 

CH2=CH-C0a /p=\ 

► H0-^^^C00CH2GH20CCH=CH 

(1) 0 
1) Synthese von 2-Hydroxyethyl-2;4-<Udhydroxybenzoat (Verbindung a) 

In einen 3 I-Dreihalskolben wurden 228,5 g (1,48 mol) 2,4-Dihydroxybenzoesaure und 500 ml Acetonitril 
eingefilhrt Dann wurde eine Misdiung von 2483 g (1*63 mol) l,8-Diazabicydo-[5A0}-7-undecen und 110 ml 
Acetonitril unter Rflhren in die Reaktionsmischung eingetropft, wdhrend deren Temperatur unter WassericQh- 
lung bei eo^'C oder weniger gehalt n wurde. Nach Beendigung des Zutropfens wurde dne Mtschung vcm 222 g 
(178 mol) 2-Bromethanol und 300 ml Acetonitril unter Riihren in die Reaktk>nsmisdiung getropft. wahrend die 
Temperatur derselben bei 60® C oder darunter gehalten wurde. 

Nadi Beendigung des Zutropfens wurde die Reaktionsl6sung 10 h lang unter RQckfluB erfahzt Nadi dem 
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AbkOhlen d r Reaktionsldsung wurde die Ldsung In einen Etfaylacetat und Hs entlialtenden Becher g^ssen 
und daim durch Zugabe von Schwefels&ure neutralisiert 

Die Realabnsldsung wurde dann in einen Scheidetrichter ObeifOhrt Di resulderende organisch Phas 
wurd zweimalmiteinergesattigtenSalzlOsunggewaschen. 

Die organische Phase wurde fiber Magnesiumsulfat getrocknet und dann durch Absaugen fdtriert Danach 
wurde das Lfisungsmittel unter vermindertem Druck abdestilliert, wihrend Toluol zu dem Filtrat zug geben 
wurde, urn erne Kristallisation zu bewirken. Die resultierenden Kxistalle wurden durch Filtration abg trennt und 
danach g trocknet, wobei man 252 g hellgelb iCristalle mit einem Schmelzpunkt von 136 bis IS&^'C (Ausbeute: 
86%)erhielt 

Die Struktur der Kristalle wurde identifiziert durch NMR-Spektrum und Elementaranalyse* wie nachstehend 
angegeben: 

>H-NMR(5:DMSO-d6): 

3.68 (t. I = « Hz, 2HX «7 (t. J « « Hz, 2H). 434 (s, 1 HX 6^ (d, J « 2X) Hz. 1 HX 638 (d4 J « 8A ^0 
7.71 (d, J » 8^ Hz. IH), 10.46 (s. IH), 10.74 (s, lH)i 
Elementaranalyse: C: 5431%; H: 5.13%. 

2) Synthese von 2-(2,4-Dihydroxybenzoyloxy)ethyl-acrylat (Verbindung 1) 

In einen 2 1-Dreihalskolben wurden 139 g (0,7 mol) 2-Hydroxyethyl-2,4-dihydroxybenzoat (Verbindung aX 
347 g (3,5 mol) N-Methylpyrrolidon und 800 ml Acetonitril eingefOhrt Dann wurde eine Mischung von 190,1 g 
(2,1 mol) Chloridacrylat und 200 ml Acetonitril unter Rfihren in die Reaktionsmiscfaung getropft, wthrend die 
Temperatur derselben unter WasserkOhlung bei 40^ C oder danmter gehalten wuide. Nach Beendigung des 
Zutropfens wurde die Reaktionsldsung 16 h lang gerOfart wobei die Temperatur derselben bei etwa 40^ C 
gehalten wurde. Nach Beendigung der Reaktion wurde die Reaktionsldsung in einen Becher gegossen, der 1 g 
tert-Butytbrenzkatechin, Bthylacetat, Eis und verdQnnte Scfawefels&ure enthieU; und die resultierende organi- 
sche I%ase wurde dreimal mit einer gesHttigten Salzldsung gewaschen. 

Die organische Phase wurde Ober Magnesiumsulfat getrodmet und dann durch Absaugen filtriert Danach 
wurde das Ldsuugsmittel unter vermindertem Druck abdestilliert, wShrend Tohiol zu dem Filtrat zugegeben 
wurde, um eine Kristallisation zu bewirkea Die resultierenden Kristalle wurden durch FHtrieren abgetrennt und 
dann getrocknet, wobei man 167 g weiBe Kristalle mit einem Schmelzpunkt von 120 bis 1203^C (Ausbeute: 
95%)erhielt 

Die Struktur der Kristalle wurde identifiziert durch NMR-Spektrum und Elementaranalyse, wie nachstehend 
angegeben: 

«H-NMR(6:DMSO.d6): 

4.42-433 (m.4HX 5^6 (d, J = 10.2 Hz, lHX6JtO(dd, J « 173,10ut Hz, lHX6^-6.40{m,4FA7^1 (d,J - 8A Hz, 
lH).1030(s,lHXl0.60(s,lHX \ ^ v-rj ^ 

Elementaranalyse: C: 57.03% ; H : 436%. 

Synthesebeispiel2 

Synthese von2-(2,4-Dihydroxybenzoyk>i^)ethyimethacrylat(Verbnidung 2) 

In einen 1 l-Dreihalskolben wurden 59,5 g (03 mol) 2-Hydroxyeth^-2,4-dihydroxybenzoat (Verbindung aX 
149 g (13 mol) N-Methylpyrrolidon und 300 ml Acetonitril eingefOhrt Zu der Reaktionsmischung wuide unter 
RQhren eine Mischung von 94,1 g (0,9 mol) Chloridmethacr^t und 120 ml Acetonitril zugetropft, wfthrend die 
Temperatur unter EiskOhlung bei 40'' C oder danmter gehalten wurde. Nach Beendigung des Zutropfens wurde 
die Reaktionsldsung 1 2 h lang gerOhrt; wobei die Temperatur bei 40 bis 45*" C gehalten wurde. 

Nach Beendigung der Reaktion wurde die Reaktionsldsung auf die gleiche Weise wie hn Synthesebeispiel 1 
behandel t Als Ergebnis erfaielt man 67 g weiBe Kristalle mit anem Schmelzpunkt von 1 153 bis 1 16*C (Ausbeu- 
te: 84%X 

Die Struktur der Kristalle wurde durch NMR-Spdctrum und Qementaranalyse ym nadistdiend angegeben 
identifiziert: 

>H-NMR(5:DMSO-d6): 

136(5,3HX4.40-435(m,4HX5.69(s,lHX6.03(s,lHX630(s,lHX638(d,J - 83Hz,lHX732(d,J - 8^ 
1030(8, lHX030(s,lHX 
Elementaranalyse: C: 583 1 %; H: 533%. 

Synthesebeispiel 3 
Synthese von 2-(2,4^Trihydroxybenzoyloxy)ethylacrylat (Verbindung 3) 
Diese Verbindung wurde nach dem folgenden Reaktionsschema synthetisiert: 
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E0-<^^C0OH-H2O 
OH 



HO-^^COOCHzCHeOH 
OH 

(Verblndung b) 


CH2=CHC0C1 


*■ H0-^3^00CH2CH2OCCH= CHg 

OH O 
(3) 



1) Synthese von 2-Hydroxvethyl-2,4,6-trihydroxybeiizoat (Verbindung b) 


In einen 500 ml-Dreihalskolben wurden 5035 g (0^7 mol) 2,4,6-Trihydroxybenzoesaiirehydrat und 150 ml 
Acetonitril eingefOhrt 13-Diazabicyclo[5.4.0]-7-undecen (45^ g, 0^0 mol) wurde zu der Reakdonsmischung 
zugetropft, wahrend die Temperatur bei 50''C oder darunter gehalten wiude. 

Nach Beendigung des Zutropfens wurde ein Ldsimgsmittelgemiscfa aus 403 g (033 mol) 2-Bromethanol und 
100 ml Acetonitril zugegeben. Nach Beendigung des Zutropfens wurde die Reakdonsldsung 16 h lang unter 
RfldcfluB eriiitzt 

Nach Beendigung der Reaktion wurde die Reakdonsldsung auf die gleiche Weise wie im Synthesebeispiel 1 
behandelt Als Ergebnis eitielt man 21^ g hellgelbe Kristalle mit einem Schmelzpunkt von 130,5 bis 133^C 
(Ausbeute:37^%). 

Die Struktur der Kristalle wurde durch NMR-Spektrum und Elementarana^e wie nachstehend angegeben 
identifiziert: 

>H-NMR(6:DMSO-d6): 

3^(t,J -5.0H2,2HX433(t,5.0Hz,2HX5M(5,2Hi 10^(s,3H). 
Bementaranalyse: C: 50^21 % ; H: 4^%. 


In einen 300 ml-DreihalskoIben wurden 213 g (99 mmol) 2-Hydroxyeth^-2;4;&-trihydroxybenzoat (Verbin- 
dung h\ 453 g (460 mmol) N-Methyipyrrolidon» 130 ml Acetonitril und 243 g (276 mmol) Chloridacrylat einge- 
fOhrt Nach Beendigung des Zutropfens wurde die Reakdonsldsung 6 h lang gerOhrt wobd die Temperatur bei 
40*C gehalten wurde. 

Nach Beendigung der Reaktion wurde die Reakdonsldsung auf (tie gleiche Weise wie im Synthesebeispiel 1 
behandelt Als Ergebnis erhielt man 12;2g weiBe Kristalle mit einem Schmelzpunkt von 1083 bis 1103^C 
(Ausbeute:453%). 

Die Struktur der Kristalle wurde durch NMR-Spektrum und Elementaranalyse identifiziert wie nachstehend 
angegeben: 


«H-NMR(5:DMSO-d6): 

433-4^ (m, 4HX 5^ (s, 2HX 536 (d, I - 10^ Hz, IH)^ 6.18 (dd, I « 17^2, 102 Hz, IHX 634 (d. I - 17^2 Hz. IH), 

10l20(s.1I41028(s,2H). 

Elementaruialyse: C:53.71%; H: 433%. 


In einen 500 ml Dreihalskolben wurden 60 g 2-(2,4-Dihydroxybenzoyloxy)ethylacryiat tmd 120 g N^-Dime- 
thylformamid eingefOhrt Dann wurde die Misdiung unter RQhren unter Stickstoffgas auf eine Temperatur von 
65" C erhitzt und es wurden 623 nig 2.2'-Azobis(2,4-dimethylvaleronitriI) zugegeben. Nach 2 h wurden auB rdem 
156 mg 2;r-Azobis(2,4-dimeth^valeronitril) zugegebea Nadi weiteren 2 h wurden 156 mg weiteres 2^'-Azo- 
bis(2,4-dimethylvaleronitril) zugegeb a Nach 2-stOndigem RQhren wurde die Reakti nsldsung auf Raumtempe- 
ratur abgeklihit Zxl der Reakdonsldsung wurden 50 ml Aoeton zugegeben und die Reakdonsldsung wuide dann 


2) Synthese von 2-{2,4,6-Tril^dro]^enzoyIo3Qr)etl9iaciylat (VerUndung 3) 


Synthesebeispiel 4 


Synthese des Pblymers Nr. 1 
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unter RQhren in einen Becher gegossen. der 2»1 1 Wasser nthidt Der resultierende Peststoff wuid danadi 
abgetrennt und getrocknet Der Feststoff war eine hochmolekulare Verbindung mit cui in gewiditsdurch* 
schnittlichen Molekulargewicht von 23 000, bestimmt nadi der lichtstreuungsmethode (Ausbeut : 56 g)L 

Synthesebelspiele 5 bis 15 

Die nachstehend angegebenen v rschiedenen hochmolekularen Verbindungen wurden auf die gleiche Weise 
wie in dem Synthesebeispiel 4 ang geben syndietisiert Das Zusammensetzungsvertialtnis in der Polymerstruk- 
tur ist das Molprozent-Verhtltnis. Das in dem Synthesebeispiel 4 synthetisierte Polymer Nn 1 ist nachstehend 
ebenfalls angegeben. 

Synthese- Uolelcular- 
oexsplex Nr. • struktur des Polymers gewicht 

' (Mw) 

(Synthese des | 

Polymers Nr. l) C-O-CHzCHz-O-g-^j^^OH 


5 Me 36 000 

(synthase des tto ' 

Polymers Nr. 2) "(CHz-C)- HQ 

. C-0-CH2CH2-0-C-<O>-0H 


,o ^ ^ -<CH2-CB3- 9BC 18 000 

(Synthese des | ) — v 

Polymers Nr. 3) C-O-CHzCHz-O-C— (OVoH 

q O 



7 -^CHz-C]^^ 56 

(Synthese des I J-^ 

Polymers Nt. 4) jf'O-CHzCHa-O-C-M^J^OH 

0 0 


CH3 
I 90 


CO-NH-S02-^^CH3 
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(Synthese des I 

Polymers Nr. 5) C-0-CH2CH2-0-C-hX_))-OH 



S02-2<IH-CO-^^CH3 


(Synthese des ^ ^ i 10 >:::^ 
Polymers Nr. 6) C-O-CHiCHz-O-C-^C^-OH 



10 


-^CHz-CH^TT- ^ 32 000 


(Synthese des I J^^^, ^ /^"^ 

Polymers Nr. 7) C-O-CHzCEz-O-CH^^^^OH 

O 


CH3 


_ COOH 
CO-NH-^^-Cl 
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11 

(Synthese des 
Polymers Nr. 8) 


12 

(Synthese des 
Folyiaers Nr. 9) 


1-10 • 
C-O-CHaCHz- 

o 

Me 
I 


COO-<CH2)T-CH3 


1 

C-O-CHzCHa 


rzo 


COOCHz-^^ 


82 000 


61 000 


-(CHz-CH^gQ- 
CN 


13 

(Synthese des 
Polymers Nr. 10) 


C-O-CHzCKz- 
CH3 
*■ I 60 


C] 

-(C3Hz-C13^ 

COO-(CH2)j-CH3 


57 000 


J— 10 
CN 
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.14 rcn, cm "'^ 

(Synthese des ^ | 'lO 


Polymers Nr. 11) C-0-CH2CH2-0-C-\jU/-OH 

0 
Me 

C0-NH-S02-\Cj/ COOH 


15 _(CH2-CHh^ HO 57 000 

(Synthese des *• i '10 >:=a 

Polymers Nr. 12) C-O-CHeCHz-O-C-^C^OH 

0 0 

CH3 


-1CH2-C)^ 


C0NHS02-\tJ>Me 


-(CH2-CB^ 


CONEE-^^- SO2NH2 


Beispiele 1 bis 3, Versleiclisbeispiele 1 bis 5 

Die OberflSche einer 0^0 mm dicken Aluminiumplatte wurde mit einer N^onbtirste und einer w&Brigen 
Bimsstein-Suspension (Teilcheiigr6Be 0«038 mm = 400 mesh) aufgerauht und dann mit Wasser grfindlich gewa- 
schen. Die so aufgerauhte Aluminiumplatte wurde in eine 10%-ige w&Brige Natriumhydroxid!dsung bei einer 
Temperatur von 70*" C 60 s lang eingetaucht, so daB sie ge&tzt wurde» unter laufendem Wasser gewaschen und 
mit 20%-iger HNO3 neutralisiert und gewaschen und dann mit Wasser gewaschen. Die so gefitzte Aluminium- 
platte wurde dann unter Verwendung eines sinusfdrmigen Wechselstroms in einer 1%-igen wftBrigen Salpeter- 
s&ureldsimg bei einer Anoden-Strommenge von 160 Coulomb/dm^ unter der Bedingungen Va — 12J Volt 
elektrolytisch aufgerauht Die durchschnittlidie Oberfl&chenrauheit der Aluminiumplatte wurde besttmmt Das 
Ergebnis war 0,6 ^.m (Ra). Danadi wurde die Aluminiumplatte in eine 30%-ige wfiBrige H2S04-L6sung bei einer 
Temperatur von SS^'C 2 min lang eingetaucht, um sie von Sdunutz zu befreien, und dann wurde sie in einer 
20%-igen wftBrigen H2S04-L5sung bei einer Stromdichte von 2 A/dsn? anodisiert, wobei eine anodisierte 
Schicht in einer Menge von 2J g/m^ erhalten wurde. Danach wurde die Aluminiumplatte in eine 2,5%-ige 
wftBrige Natriumsiltcatldsung bei einer Temperatur von 70*'C 1 min lang eingetaucht, mit Wasser gewaschen 
und dann getrocknet Auf die so behandelte Aluminiumplatte wurde dann eine L5sung (A) zur Herstdlung einer 
Zwischenschicht (Haftschicht) mit der folgenden Zusammensetzung aufgebracht Das beschichtete Material 
wurde dann bei einer Temperatur von SO^'C 30 s lang getrocknet, wob^ man einen THiger (I) erhielt Das 
Beschichttmgsgewicht in der getrockneten Form betrug 30 mg/m^. 

Ldsung for die Zwisehensdiicht (Haftscfak:ht)(A) 

Phenylphosphonsfiure 0^10 g 

Methanol 40 g 

remes Wasser 60 g 


Auf den Trftger (I) wurde eine lichtempfindliche Ldsung (A) mit der nachstehend angegebenen Zusammenset- 
zung unter Verwendung einer Stabbeschichtungselnriditung m iner Meng von 25 ml/m^ aufgebracht Das 
besduchtet Mat rial wurde dann bei iner T mperatur von 100^ C 1 mm lang getrocknet, wobei man eine 
positiv arbdtende liditempfindydie lithogr^hlsche Dni^latte erhielt Das Beschkhtungsgewfcht nach dem 
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Trocicnen betrug etwa 1,7 g/m'. 

Lichtempflndlich L6sung(A) 


Produkt der Versterungsreaktion von l,2-Naphthocliinondiazid-5-suIfonylchl rid mit 0^75 g 
2^,4-Trihydroxybenzophenon 

Polymer wie in der Tabelle I angegeben 2,0 g 

2-(p>But xyphenyl)-4,6-bis-(trichIoroinethyl)-s-triaziii 0,02 g 

Naphthochinon- l,2-diazid-4-sulfoiiatchlorid 0,03 g 

Kristallviolett 0,01 g 

Oil Blue #603 (erhftltllch von der FInna Orient Chemical Industry Co^ Ltd) 0,015 g 

Ethylendichlorid 18 g 

2-Methoxyethylacetat 12 g 


Diese lichtempHndlichen lithograpliischen Druckplatten wurden jeweils mit Licht aus einer 2 kW-Metallhalo- 
genidlampe, die in einem Abstand von 1 m angeordnet war, durch ein positives transparentes Original 40 s lang 
belichtet 

Die so belichteten lichtempHndlichen lithographischen Drudq>latten wurden jeweils unter den nachstehend 
angegebenen Bedingungen entwickelt Im einzelnen wurden diese Proben jeweils entwickelt mit einem Entwidc- 
ler (pH 10), der erhalten wurde durch VerdOnnen der nachstehend angegebenen Entwickler-Vorratsldsung 1 mit 
Wasser auf das 4fache, und dem Fmisher FP-2, erhaltOcfa von der I^nna Fuji Photo Him C6., Ltd, die in eine 
automatische EntwicklungsvorrichtUQg Stablon 900NP, eriiflltlich von der Firma Ftiji Photo Fihn Ox, Ltd, 
eingef&Ut wurden, bei einer Entwicklungstemperatur von 30"C fOr eine Entwicklungszeit von 30 s. 

Entwidder-VorratslOsung 1 


Natriumcarbonatmonohydrat 6g 

Natriumhydrogencarbonat 3g 

Ethylendiamintetraessigsfliu^ 2 g 

Natriumdodecylbenzolsulfonat 1 g 

Wasser 100 g 


Die so entwickelten iichtempfindlichen lithographischen Flatten wurden dann geprOft, um zu sehen, ob ein 
Bild erhalten worden war. 

Die Bilderzeugungseigenschaften der Iichtempfindlichen lithographischen Druckplatten, auf denen die licht- 
empfindliche Schicht unentwickelt geblieben war, wurden als "schlecht" (Unterentwicklung) bewertet Die 
Bilderzeugimgseigenschaften der tichtempHndlichen lithographischen Druclq>latten, auf denen die lichtempHnd- 
liche Schicht vollstandig aufgeldst worden war, wurden als "schlechf (Oberentwicklung) bewertet Die Bilder- 
zeugungseigenschaften der Iichtempfindlichen lithographischen Druclq>latteQ, auf denen ein positives Bild erhal- 
ten worden war, wurden als *guf bewertet Die Biklerzeugungseigenschaften zwischen "gut" und '^schlechtT 
wurden ak ''ausreichend* bezeichnet 

Um den Bereich der optimalen Entwicklungsbedihgungen (Entwicklungszeit-Toleranz) zu bestinunen, wurde 
die Andenmg des Farbtonwiedergabevermogens ab der Entwicklung nach dem Eintauchen in den obengenann- 
ten Entwickler fOr 12 s bis zu demjenigen nach dem Eintauchen in den gleichen Entwickler fOr 2 min bestimmt 
Diejenigen, bei denen eine geringe oder keine Anderung auftrat, wurden als *guf bewertet Diejenigen, bei 
denen eine starke Anderung auftrat, wurden als "schledit* bewertet Diejenigen, bei denen eine Anderung 
zwischen den beiden Extremen auftrat, wurden als "ausreichend" bewertet 

Zur Bestimmung der Auskopiereigensdiaften nach der Bdichtung wurden die optisdien Dichten der belichte- 
ten und unbelichteten Flachen mit einem MacBeth-Reflexions-Densitometer bestimmt Je gr6Ber die Differenz 
(AD) zwischen der optischen Dichte der belichteten Fliche und derjenigen der unbelichteten Fl&che ist, um so 
lebhafter (heller) ist das durch die Belichtung erhaltene Bild 

Die Druckeigenschaften nach der Einbrennbehandlung wurden wie folgt bewertet 

Nach dem Entwickehi wurde die bedrudcte OberflSche mit einem Blnbrenn-Konditionienmgsmittel BC-3^ 
erhaltUch von der Firma Fuji Photo FUm Co, Ltd, abgewischt und dann mit einer Embrenn-Elnrichtung BP-1300^ 
erhfiltlich von der IHrma Fuji Photo Fdm Co, Ltd, 3nim lang bei 200^C behandelt Die behandelte bedruckte 
Oberfiache wurde mit einer LOsung welter behandelt, die durdi VerdOnnen von Gum GU-7, eriiahlidi von der 
Firma Fuji Photo Film Co, Ltd, mit Wasser auf das Zwdfache erhalten worden war. Nach einem Tag wurde die 
Druckplatte auf einer Hidel KOR-D-Druckmaschine montiert, erhftltUcfa von der Fhina Heide&erger Druckma- 
schinen Aktiengesellschaft 

Die verwendeten Polymeren und die erhaltenen Ergebnisse sind in der nachstehenden Tabelle I angegeben. 

Die Polymeren Nr. C-l bis C-8 sind Verbindungen, die auBerlialb des Rahmens der vorliegenden Erfindung 
liegen und sie sind in JP-A-63-226641 beschriebea 
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Die Tabdie I zeigt, da8 die rfindungsgemSBen licht mpfindlidiai Zusanunensetzuiigeii ausgezeiclinete 
Eigenschaften auhreisen. 


Nr. C-1 


CH3 


C0-NH-S02-<^)-Me 


Nr. C-2 


CN 


Beispiele 4 bis 6^ Vei:gldchsbeispiele 6 bis 10 

Eine 0^4 mm dicke IIS-A-1050-Alummiumplatte wurde mit einer ersten rotierenden N^onbOrste mit einer 
Haarlinge von 100 mm, einem Haardurcfamesser von 0,95 mm und einer Haardichte von TO/cm^ sowie mit emer 
zweiten rotierenden NylonbOrste mit einer HaariSnge von 80 mm, einem Haardurchmesser von 0^5 mm und 
einer Haardichte von 670/cm' bei 250 UpM mit einer w&Brigen Bimssteinsuspension mit einem durchschnittii- 
Chen Korndmichniesser von 21 ^m, die auf die Oberflftche derseiben aufgebracht wuide, aufgerauht Danach 
wurde die AJuminiumpIatte mit Wasser grOndlich gewaschen. Die so aufgerauhte Aluminiumplatte wurde dann 
m eine 10%ige waBrige Natriumhydroxidi5sung mit einer Temperatur von 60^C 25 s iang eingetaucht so daB sie 
ge&tzt wurde. Die so ge&tzte Aluminiumplatte wurde unter laufendem Wasser gewaschen, mit 20%iger Salpe* 
ters&ure neutralisiert und gewasdien und dann mit Wasser gewaschen. Die so ge&tzte Aluminiumplatte wurde 
dann elektrolytisch aufgerauht mit emem sinusf drmigen Wechselstrom in einer 1 %igen wfiBrigen SalpetersSure- 
Idsung bei einer Anoden-Strommenge von 160 Coulomb/dm^ unter der Bedingung Va ■» 12,7 V. Die durch- 
schnitdiche Oberflachenrauheit der Aluminiumplatte wurde bestunmt Das Ergebnis war 0J9 \m (Ra). Danach 
wurde die Aluminiumplatte in eine l%ige wafirige Natriumhydroxidldsung bei einer Temperatur von 40^ C 30 s 
lang eingetaucht Die Aluminiumplatte wurde in eine 30%ige wflBrige Schwefels^ureldsung bei einer Tempera- 
tur von eO^'C 40 s lang eingetaucht, urn sie von Schmutz zu befreien, und dann wurde sie m einer 20%igen 
waBrigen Schwefelsaurel5sung bei einer Stromdichte von 2 A/dm' anodisiert, wobei man eine anodisierte 
Schicht in einer Menge von 1^ g/m^ erhielt. 

Danach wurde die Aluminiumplatte in eine 2,5%ige wfiBrige Natriumsilicatldsung bei einer Temperatur von 
40^ C 1 min lang eingetaucht und dann getrocknet Auf die Oberfliche der Aluminiumplatte wurde auf die gldche 
Weise wie in den Beispielen 1 bis 3 eine LOsung fOr eine Zwischenschicfat (Haftsdiichl) (A) aufgebracht zur 
Herstellung des Tragers (II). 

Auf den Trdger (II) wurde dann die lichtempfindliche Beschichtungsldsung(A) auf die gletche Wdse wie in den 
Beispiele 1 bis 3 aufgebracht Die beschichteten Materialien wurden daim getrocknet, wobei man positiv 
arbeitende lichtempfmdliche lithographische Dnickplatten erhielt 

Diese lichtempfindlichen lithographischen E>ruckplatten wurden jeweils out Licht aus emer 2 kW-MetaUhalo- 
genidlampe, die in einem Abstand von 1 m davon angeordnet war, durch ein positives transparentes Original 
hindurch 40 s lang belichtet 

Diese so belichteten lichtempfindlichen lithographischen DrQdcpIatten wurden jeweils unter den folgenden 
Bedingungen entwidcelt Im dnzebien wurden dSese Proben jewefls entwidcelt mh einem Entwickler (pH 10J5), 
der erhalten worden war durch VerdOnnen der nadistdhend angegebenen BntwIdder-VorratsIOsung 2 auf das 
4fache und dem Finisher PP-2, erhfiltlich von der Firma Fuji Photo Film Co, Ltd, die in eine automatische 
&itwicklungsvorrichtung Stablon 900NP, erhaltlich von der Firma Fuji Photo Film Co^ Ltd, eingefOllt wurdea 
Die Entwicklung wurde 12 s lang bd einer Temperatur von 30*C 12 s Isoig durdigefOhrt 


CH3 
-(CH2-C: 


CO -NH-SO2 -^^-CHa 


-(CHz-CHJ 


r'20 
COOCH2 
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Entwickler-V rratsldsung2 


Natriumcarbonatmonohydrat 9 g 

Natriumhydrogencarbonat 1,5 g 

Diethylentriaminpentaessigsflure 2g 

Natriummetanitrob nzolsuifonat Ig 

Wasser 100 g 


Diese Proben wurden jeweOs aitf die gleiche Weise wie in den Beispielen 1 bis 3 daraufhin bewertet, ob ein lo 
Bild darauf erfaalten worden war oder nicht 

Der Bereich der optimalen Entwicklungsbedingungen (Entwicklungszeit-Toleranz» Auskopier-Eigenschaften 
und Dnickeigenschaften nadi dear Etnbreimbehandlung) wurden auf die glddie Weise wie in den Beispielen 1 bis 
3 bewertet Die Ergebnisse sind in der nachstehenden Tabelle II angegeben. 
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Die Tabelle II zeigt, daS die erfindungsgemlBen fichtenqrfindlidieii Zusamineiiset2»ngen ausgezeicfanet 

Eigenschaften aufweisen. 


Mr. C-3 


SOz-NH-CO-^^CHa 


Nr. c-4 



C0-OT-S02-(C.J)-Me COO-tCHzij-CHa 

Beispiele 7 bis 9, Ver£^eidi5beisi»ele 1 1 bis 15 

Eine Aluminiumplatte wurde auf die gleiche Weise behandelt wie in den Beispieien 1 bis 4 zur HersteDung des 
Substrats (II). Auf das Substrat (n) wurde dann eine lichtempfindliche Ldsung (B) mit der nachstehend angegebe- 
nen Zusammensetzung unter Verwendung einer Schleuderbesduchtungseinrichtung aufgebracht Das beschich- 
tete Material wurde dann bei einer Temperatur von lOO'C 1 min lang getrocknet» wobei man eine positiv 
arbeitende lichtempfindliche lithogr^hische Dnidcplatte eriiielt Das Beschkfatungsgewicht in der getrockne- 
ten Form betnig etwa 1 ,7 g/cm^. 

Lichtempfindliche Ldsung (B) 

Produkt der Veresterungsreaktion von i;2-Diazanaphthocfainon-5-sulfonyIchlorid nut 0,45 g 
Pyrogallolacetonharz (in Beispiel 1 des US-Patents 3 635 709 bescfarieben) 

Polymer wie in Tabelle III angegeben 1,2 g 

Naphthochinondiazid-l,2-diazid-4-sulfonatchlorid 0,01 g 

Tetrahydrophthalsflureanl^drid 0,02 g 

BenzoesSure W2g 

Pyrogallol ft05g 

4-|p-N^-Bis(ethoxycarbonylmethy])-aminophenyl}-2^bis(tricfaloiometii^ 0^005 g 
als Triazin A" bezeichnet) 

N'<l,2-Naphthochinon-2-diazid-4-sulfonyloxy)pydohexan-i;2Klicarboi^latimid 0,01 g 
Farbstoff, der erhalten wurde durch Umwandlung des gepaarten Anions in Victoria Pure Blue BOH 0,045 g 
(erh&ltlich von der Firma Hodogaya Chemical Co, Ltd.) in l-Naphthalinsulfonsfture 

Megaf ac F- 1 77 (fluoriertes oberfi&chenaktives Agens, eriiAltlich von der Pinna Dainippon Ink & 0,015 g 
Chemicals, Inc.) 

Methylethylketon 25 g 

Propylenglycolmonometh^^ther 10 g 

Diese lichtempfindlichen photographischen Druckplatten wurden jeweils in einem Vakuumdnickrahmen mit 
Licht aus einer 3 kW-Metallhalogenidlampe, die in emem Abstand von 1 m davon angeordnet war, durch einen 
transparenten positiven Film hinduich 1 min lang beliditet und dann mit ein^ 3>5%igen wftBrigen Natriumsili- 
catldsung (pH 12,4), die SK)2/Na20 (Molveriialtms: 2fi) enthielt, bei dnar Tempmtur von 3a"C 12 s lang 
entwickelt 

Diese Proben wurden dann jeweils auf die gleiche Weise wie in den Beispieien 1 bis 3 angegeben daraufliin 
bewertet, ob ein Bild darauf erzeugt worden war oder nidit 

Der Bereich der optimalen Entwicklungsbedingungen (Entwicklungszeit-Toleranz, Auskopier-Eigenschaften 
und Druckeigenschaften nach der Einbrennbehandlung) wurde auf di gleiche Weise wie m den Beispieien 1 bis 3 
bewertet Die Ergebniss sindm der folgenden Tabelle III angeg ben* 


29 


DE 195 20 625 Al 


o 
o 
o 


o 
o 


c 


vo cn f>5 


o 
o 
o 

o 


O 

n iH ipn 


in 
o 


o 


03 
C 
0) 

a 

U fO Q) 

^ c u 

MS CQ 


o 
c 

9) 


0) 

IS 
3 


4J 

■§ 

o 

01 


4J 


•a 
c 

01 

p x: 
3 o 

c u 

Q) 01 

x: 3 

O 10 
10 

> c 


•P ^ 4i 

c> 


c 

Q> 

o 

m 
ns 


I 


c 

<» 

■p x: 

3 o 

Q) 

0) cn 
x: 3 
o us 
m 

c 

5a 3 


c 

0) 

o 

0> 

CO 
3 


4J 


t 

4J 


U M L- 

s z 

u u u 

o <u< o 

^ ^ B 

•H r-( ^ 

o o o 

CU A« CU 


>, -5 

> 

M 4J r-4 

(D O 
CSS 
O ^ 

C 0 

u u 

Q) 3 ^ 
6 4J ri 
^ Id (0 

r-l rH rH 
O >,>, 

Q*u u m 
O O u-H 
O 10 10 C 


I 


o 
u 
>« 
p 

(0 

>t 
X 

\ p 


I 

C 
•H 

Xi N 
O l4 
0) 10 

4< 10 
M iH 
C O 
0} > 
M O 


in 
I 

a 


u 
% 

u 

0) 

a 
o 


•a 
c 

<D 

4i jC 
3 O 

0) 
C M 

O 10 
10 

> c 

M 3 


I 

U 


o 
Pi 


1^ 00 d 


(D 01 O -H 


Oi 01 Qi 

(0 U (0 

-H -H -H 

0 OS 0) 

CQ CQ m 


I H 
(0 H 

OfH 
0) 

H Oi 
tJ^ 01 

<U Q) 
> CP* 


1 CM 
CO H 

•<H 0) 

a)*H 

H Q< 

CP to 
M-H 
4) 0) 

> CQ 


I n 

CO iH 

x: 

O H 
0) 

H a 

CO 

M-H 
0) 01 
> CQ 


U rH 
•H Q) 
Q)-H 

cn 0) 

0) o 
> n 


t to 

0) r-l 

x: 

•H 0) 

H a 
CO 

V4-H 
01 0) 

> n 


30 


DE 195 20 625 Al 

Die Tabelle III zeigt, dafi die erfindungsgemafien lichtempfindlichen Zusammensetzungen ausgezeidin te 
Eigenschaften aufweisen. 



Nr. C-6 

CH3 


CO^-NH-SOz-^^)^ CH3 

COO-tGHz^CHs CN 

Beispiele 10 bis 12, Vergleichsbeispiele 16 bis 20 

Eine Aluminiumplatte wurde auf die gleiche Weise wie in den Beispielen 1 bis 3 behandelt zur Herstellung 
eines Trigers (I). Auf den Trfiger (I) wurde dann die lichtempfindliche L5sung (B) in der gleichen Weise wie in 
den Beispielen 7 bis 9 in Form einer Schicht aufgebracht (die Arten der Polymeren wurden ge&ndert, wie in der 
Tabelle IV angegeben). Das beschichtete Material wurde dann getrocknet wobei man positiv arbeitende 
lichtempfindliche lithographische Druckplatten erhielt Das Beschichtungsgewidit in der getrockneten Form 
betrug 2,0 mg/m^. 

Diese lichtempfmdlichen lithographischen Druckplatten wurden jeweils mit licht aus einer 2 kW-Metallhalo? 
genidlampe, die in einem Abstand von 1 m davon angeordnet war, durch ein podtives transparentes Original 
hindurch 40 s lang belichtet 

Diese so belichteten licfatempfindlichen lithographischen Druckplatteen wurden dann jeweils unter den fol- 
genden Bedingungen entwickelt Im einzelnen wurden diese Proben jeweils entwickelt mit einem Entwickler 
(pH lOX der erhalten wurde durch VerdQnnen der nachstehend angegebenen Entwickler-Vorratsldsung 3 auf das 
2fache und dem Finisher FP-2, erh&ltlich von der Firma Fuji Photo Film Co, Ltd» die in eine automadsche 
Entwicklungsvorrichtung Stablon 900NP» erhUtlich von der Flrma Fuji Photo Film Co, Ltd, eingefOllt wurdea 
Die Entwicklung wurde 12 s lang bei einer Temperatur von 30^C durchgefOhrt 

Entwickler-Vorratsl6sung 3 

Benzyialkohol 10 g 

Triethanolamin 10 g 

Natriumisopropyhiaphthalinsulfonat 10 g 

Wasser 500 g 

Diese Proben wurden auf die gleiche Weise wie in den Beispielen 1 bis 3 daraufhin bewertet; ob darauf ein BUd 
erzeugt werden kann oder nicht 

Zur Bestimmung des Bereiches der optimalen Entwkklungsbedingungen (Entwicklungskonzentrations-Tole- 
ranz) wurden die Andening des Farbtonwiedergabevermdgens ab der Entwicklung mit einem Entwidder, der 
erhalten worden war durch VerdQnnen der obengenannten Entwickler-Vorratsldsung 3 mit Wasser auf das 1 
l/2fache, bis zu demjenigen mit einem Entwickler, der erhalten worden war durch VerdQnnen der obengenann- 
ten Vorrats-EntwickleriOsung 3 mit Wasser auf das 2fache, bestimmt Diejenigen, die eine geringe oder keine 
Anderung ergaben, wurden als ''gut* bewertet, diejenigen, die me starice Anderung rgaben, wurden als 
"schiedit" bewertet Diejenigen, die eine Anderung zwisdien den bdden Bstremen ergaben, wurden als "ausrei- 
chend** bewertet 

Die Auskopier-Bgenschaften und die Drudceigenschaften nadi der Einbrennbehandlung wurden auf die 
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gleicfae Weise wie in den Beispielen 1 bis 3 bewertet 
DieErgebnisseslndinderfolgend nTabell IVangegebea 
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Die TabeUe IV zeigt, daB die erfiiiduiigsgeinaBeii Kditempfindlidien Zusanunensetzuiigen ausgezddin t 
Eigenschaften aufweisen. 

Nr. C-7 


CH3 CH3 
C0NHS02-<Q> COOH 


Nr. C-8 


CH3 

CONHS02-(r})-CH3 C0NH-<r))-S0aNH2 

Beisptele 13 und 14, Vei^leichsbeispiele 23 und 24 

Bine Aluminiumplatte wurde auf die gieiche Weise wie in den Beispielen 4 bis 6 behandelt zur Hersteliung 
eines Substrats (II). Auf das Substrat (II) wurde dann die lichtempfindlidie Ldsung (Q mit der nachstehend 
angegebenen Zusammensetzung unter Verwendung einer Schleuderbeschichtungseinrichtung aufgebracht Das 
beschichtete Material wurde dann bei einer Temperatur von 10(y*C 1 min lang getrockne^ wobei man eine 
posidv arbeitende lichtempHndliche lithographische Dnickpiatte eriuelt Das Besdiichtungsgewicht in der ge- 
trockneten Form betrug etwa 1,8 g/cm^. 


Liditempfindlidie Ldsung (C) 


Produkt der Veresterungsreaktion von l^-Diazanaphthochinon-5-suIfon^chlorid 0,45 g 
mit PyrogaJlolacetonharz (beschrieben in Beispiel 1 des US-Patents 3 635 709) 

Polymer* wie in TabeUe V angegeben ijt g 

Warmevemetzungsmittel Dl (die im Synthesebeisptel 1 der japanischen wie in dTabcDe V 

Patentanmeldung Nr. 4-303515 beschriebene Verbindhmg) angegeben 

Naphthochinondiazid-l^-diazid-4-sulfonatdiIorid 0,01 g 

TetrahydrophthalsSureanhydrid 0,02 g 

Benzoes&ure 0,02 g 

Pyrogallol 0,05 g 

4-[p-N,N-Bis(ethoxycarbonyImethyl)aminophenyQ-2^bis(trlchloromethy05-triaz^ 0,01 g 
(nachstehend als Triazin A" bezeidmet) 

N-(l,2-NaphthocMnon-2-diazid-4-suIfonyIoxy)(^dohexan-l,2-dicarboxylatinud Oftl g 

Farbstoff, der erhalten wurde durdi Umwandlung des gepaarten Amons in Vktoria 0,045 g 
Pure Blue BOH (erhaltlich von der Firma Hodogaya Chemical Ox» Ltd.) in 
l-Naphthaiinsuifonsslure 

Megafac F-177 (fluoriertes oberflftdiaiaktives Agens» erhfiltlidi von der Rrma 0|015 g 
Dainippon Ink & Cheoiieals; ina) 

MethylethyUceton 25 g 

Pix>pyIengIycolmonomethyiather 10 g 


^^nnevemetzungsmittel D-1 
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Diese lichtempfindlichen lithographischen Druckplatten wurden jeweils m einem Vakuumdruckrahmen mit 
licht aus einer 3 kW-Metallhalogenid-Lampe, die in einem Abstand von 1 m davon angeordnet war, durch einen 
transparenten positiven Film hindurch 1 min iang belichtet und dann entwickelt» wobei man ein positives Bild 
erhieit auf die gleiche Weise wie in den Beispielen 1 bis 3. Danacfa wurde die Einbrennbehandlung auf die gleiche 
Weise ^e in den Beispielen 1 bis 3 durchgefilhrt und die DrudEpIatte wurde auf einer Offiset-Druckmaschine 
bef estigt» um die Druckkapazit&t zu bestimmea 

Die erhaitenen Ergebnisse sind in der Tabelle V angegeben. Die Ergebnisse der Beispiele 1 und 2, die kein 
WftrmevemetzungsmittelD-1 enthielten»sind ebenftdls in der Tabelle V angegeben* 


B eispiel Nr , Polymer Nr, 


Belspiel 13 

Beispiel 14 

Beispiel 1 

Beispiel 2 

Vergleichs- 
Beispiel 23 

Vergleichs- 
Beispiel 24 


Polymer Nr. 1 

Polymer Nr. 4 

Polymer Nr. 1 

Polymer Nr. 4 

Polymer Nr. C-l 


TabeUeV 


zugegebene 
Menge von D-1 

(g) 

0.03 
0.03 
- 0 
0 

0.03 


Anzahl der bedruck- 
baren Blatter nach 
der Einbrenzibeband- 
lung 


Polymer Nr. c-l 


400 000 
3X0 000 
350 000 
280 000 
180 000 

180 000 


Die Tabelle V zeigt, da8 die erfmdungsgemllBen lichtempBndlichen Zusammensetzungen durdi Zugabe eines 
Warmevemetzungsmittels ein weiter verbessertes Einbrenn-Druckvermdgen aufwiesen. 

Wie in den vorstehenden Beispielen angegeben, wetsen die erfindungsgemaBen lichtempfindlichen Zusam^ 
mensetzungen eine ausgezeichnete Entw^elbariceit und eine ausgezeic^nete &itwickIungszdt-ToIeranz fOr 
einen Entwickler mit einem pH-Wert von 12,5 oder weniger auf und besitzen ausgezeichnete Au^pier-Eigen- 
schaften und eine ausgezeidinete Drucklebensdauer (DruckkapazitAt^ wenn sie nach der Entwicklung erhitzt 
worden sind 

Patentansprfiche 

1. LichtempHndliche lithographische Druckplatt^ dadurch gekeimzeichiiet» daB de umfaBt einen T^^er, 
auf den eine lichtempfindlich Zusammensetzung aufgebracht ist, di eine hochmolekulare Verbindung mit 
ein r Partialstruktur der nachstehend angegebenen Formel (I) nthfllt, bei der ein belichteter Abschnitt der 
lichtempftndlichen Zusammensetzung in einer wft&igen AlkalilOsung geldst und damit entf emt wind und ein 
unbelichteter zurOckbldbender Absdmitt der liditempfindlichen Zusanmnens tzung ein Dnickforbe auf- 
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nehmender Abschnht ist: 



C-0-f]9-0-C 
0 

worinbedeuten: 

X eiae Alkylengruppe, eine substituierte AUcytengruppe^ 


'-CHaCHzO-C-CHsCH -C-OCH2GH2- 
0 0 



-CH2CH2O-C -tWj- C -OCH2CH2- 
0 O 


-CH2CH2-N- C-OCH2CH2- 
0 

H H 
-CHzCHz-N- C-N-CHaCH^- 

0 

Ri ein Wasserstoffatom, ein Halogenatom oder eine Alkylgruppe; 

R2 und R3 jeweils imabhftngig voneinander ein Wasserstoffatom^ ein Halogenatom* eine Alkylgruppe, eine 
substituierte Alkylgruppe, eine aromatische Gruppe, eine substituierte aromatische Gnippe, ^OR4, — OO- 
ORs, — CXDNHRe, — COR7 oder — CN, worin R4, Rs^ Re und R7 jeweils unahhjingig voneinander stehen fOr 
eine Alkylgruppe oder eine aromattsdie Gnippe oder worin Ra und R3 miteinander kombiniert sein kOnnen 
unter Bildung eines Ringes; und 
ndie 2:ahl2oder3. 

2. lichtempfindliche Zusammensetzung, dadurch gekennzeichnet, daB sie eine hodunolekulare Verbindung 
mit einer wiederkehrenden Einheit der nacfastehend angegeben Fonnel (P) enthfllt: 



worinbedeuten: 

X eine Alkylengruppe, eine substituierte Alkylengruppe, 
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-CH2CH2OCH2CH2- 

-CH2CH20-C-CH=CH -C-OCHzCHz- 
O O 



-CH2CH20-C-[W^C-OCH2CH2- « 
O O 

H 

-CH2CH2-N- C-OCH2CH2- 
O 

20 

Oder 

H H 

-CHzCHz-N-C-N-CHeCHe- ^ 

o 

Rt ein Wasserstoffatonu ein Halogenatom oder eine Alkylgnippe; 

R2 und R3 jeweOs unabhSngig voneinander ein Wasserstoffatom, dn Habgenatom, erne Alkylgnippe, eine 30 
subsdtuierte AU^lgruppe, erne aromatische Gruppe. eine substituierte aromatisdie Gnippe» — OIU — CX>- 
ORa, ^OONHRe» — OOR7 oder — CN, worm R4» Ra> Ra und R7 jewdls iinabhflngig vondnandor stehen fOr 
eine Alkylgnippe oder eine aromatisdie Gruppe oder worin R3 und R3 miteinander kombimert sein k5nnen 
unter Bildung eines Ringes; 

n die Zahl 2 oder 3; und 35 
p eine ganze Zahl von 1 oder mehr. 

3. Lichtempfmdliche Zusammensetzung, dadurdi gekennzekrhnet, daB sie ein Copolymer mit einer Partial- 
struktur der nachstehend angegebenen Fonnel (Q und mindestens einer Pardalstruktur^ ausgewfthlt aus den 
folgenden Formeln (U), (jn^{IV) und (VX als eine hochmolekulare VerbincUing endiBlt: 

40 

(CH)n 

O R3 " . 

50 

worin bedeuten: 

X eine Alkylengruppe* eine substituierte Alk^engruppe, 

55 


60 


£5 
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-CHiCHzOCH^CHj- 

-C3H2CH20-C-CH=CH -C-OCH2CH2- 
II 11 ' ^ 

O O • 



-CHzCHzO-CjiWj-C-OCHzCHz- 
0 O 


-CHzCHz-N- C-OCHzCHz- 
0 

odo- 

H H 
-gH2CH2-N-C-N-CH2CH2- 

O 

Ri ein Wasserstoffatom, ein Halogenatom oder eine Alkylgruppe; 

R2 und R3 jeweils unabhUngig voneinander ein Wasserstoffatoxn, ein Halogenatom, eine Alkylgrappe, eine 
substituierte Alkylgruppe, eine aromatische Gruppe» eine substituierte aromatische Gnq>pe, — OR4, -»CX>- 
OR5, — OONHR^ — CXDRy Oder — CN, worin R^* R5, Re und Rj jeweils unabhfingig voneinander steiien fOr 
eine Alkylgruppe oder eine aromatische Gruppe oder worin R2 und R3 miteinander kond>inieit sein Iri^nnen 
unter Bildung eines Ringes; und 
ndieZahl2oder3; 


R8 


* * * ' 


worin bedeuten: 

Ra ein Wasserstof f atom, ein Halogenatom oder eine Alk^gruppe; 
A eine Phenylengruppe oder eine substituierte Phenylengruppe; 
B —CO— Oder — SO2— ; 

E — 00— R9 oder — SOb~Ra> worin R9 steht fOr eine Alkylgruppe^ eine substituierte Alkylgruppe eine 
aromatische Gruppe oder eine substituierte aromatische Gruppe; 

m und n jeweils unabh§ngig voneinander die Zahl 0 oder 1, nut der MaBgab^ daB dann» wenn dner der 
Indfees m und n bedeutet 0, der andere nicht 0 ist; 

RlO 

L2 i^^^) 


Rl4 Rl3 


worin bedeuten: 

Rio in Wasserstoffatom, ein Halogenatom oder eine Alkylgruppe; 
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YeinSauerstoffatom, — NH— oder --N(Ri5)— , worinRisfQreine Alk^gruppesteht; 
Rii, Ri2, Rj3 und Rt4 jeweils unabhdngig voneinander ein Wasserstoffatom, ein Hal genatom» eine Alkyl- 
gnippe, eine substituierte Alkylgruppe, eine Arylgruppe, eine substituierte Arytgnippe, — ORi& — OCO— 
Ri7, -NHCO-Rifc -NHCX)NHRi9, -OCX)NH-R2o, -COOfoi, -CX>NHR«i. -COR23. -CX)NR24Ra5. 
— CN Oder — CHO, worin R161 Rn, Ri& R19. R2o> R2i> R22, R23» R24 und R25 jeweils unabhftngig voneinander 
stehen fOr eine Alkylgruppe, eine substituierte Alkylgruppe, eine Ar^gruppe oder eine substituierte Aryl- 
gruppe Oder worin zwei der Reste Riu Riz* R13 und Ru miteinander kombiniert sein kOnnen unter Bildung 
eines Ringes, rait der MaBgabe, dafi mindestens einer der Reste Ri u Ru» Rts und Ru eine andere Gruppe als 
ein Wasserstoffatom bedeutet; 

-iCKz-Cy- (IV) 
C-Z-R27 


R28 
R29 

worin bedeuten: 

R28 ein Wasserstoffatonu ein Halogenatom oder dne Alkylgruppe; und 
R» eine aromatische Gruppe, — CN oder — CHO. 

4. lichtempfindliche Zusammensetzung nach Ansprudi 3» dadurch gekennzeichnet, daB sie ein Copolymer 
mit einer Partialstruktur der Forracl (t), mit einer Pardalstruktur der Fonnel (II) und mit mindestens einer 
Partialstruktur, ausgewflhlt aus den Formeln (IIIX (FV) und (V), ate hochmolekulare Verbindung entMlt 


10 


15 


worin bedeuten: 20 
R26 ein WasserstofTatom, ein Halogenatom oder eine Alkylgruppe; 

R27 ein WasserstofTatom, eine Alkylgruppe, eine substituierte All^lgnippe; eine aromatische Gruppe, eine 
substituierte aromatische Gruppe oder eine Aralkylgrupe; und 
Z em Sauerstoffatom oder — NH--; 
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